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1. Problemstellung und Vorgehensweise

In der Untersuchung werden die gesamtwirtschaftlichen und regionalen Folgewirkun-
gen, die sich aus der Standortentscheidung der Siemens AG zum Bau eines modernen
Halbleiterwerks SIMEC in Dresden ergeben, sowohl quantitativ als auch qualitativ ana-
lysiert. Eine Hauptaufgabe der Untersuchung besteht darin, durch eine differenzierte Be-
trachtung der von dieser Standortentscheidung ausgehenden Impulse und 6konomischen
Folgeeffekte eine grofere Transparenz der Standortwirkungen solcher von der offentli-
chen Hand geforderten GroBvorhaben im High-tech-Bereich herzustellen.

Insbesondere soll das Gutachten Ergebnisse fiir die Beantwortung folgender Fragestel-
lungen liefern:

— Welche Standortfaktoren sind bei der Ansiedlung von GroBvorhaben im High-tech-
Bereich, insbesondere bei der Standortentscheidung von modernen Halbleiterwerken,
von Bedeutung?

— Welche quantifizierbaren 6konomischen Folgewirkungen im Hinblick auf die Ent-
wicklung von Beschiftigung, Produktion und Einkommen sind in Deutschland und in
der Region Dresden zu erwarten? Welche quantifizierbaren fiskalischen Auswirkungen
ergeben sich auf der Einnahmen- und Ausgabenseite des Staates aus einer solchen
okonomischen Entwicklung im Gefolge einer staatlich geforderten Ansiedlungsent-
scheidung?

— Welche qualitativen Wirkungen ergeben sich fiir die Leistungsfihigkeit des Standorts
und wie verdndert sich die Qualitit des Standorts im Hinblick auf die Attraktivitiit fir
die Ansiedlung anderer Investitionsvorhaben im High-tech-Bereich?

— Welche Entwicklungslinien lassen sich fiir andere Standorte von Halbleiterwer-
ken (Regensburg, Silicon Glen/Schottland und Austin/Texas) zeichnen und welche
Schluifolgerungen ergeben sich fiir die Standortperspektiven in Dresden?

— Welche Folgerungen ergeben sich aus der beispielhaften Analyse dieses GroBvorha-
bens fiir die nationale und regionale Forschungs- und Technologiepolitik?

Zu beriicksichtigen ist dabei, daB es sich bei der Forderentscheidung um keine rein
technologiepolitische Mafinahme handelt, sondern regionalpolitische Ziele ebenso eine
wichtige Rolle spielen. Es wurden in erheblichem Umfang Forderinstrumente und For-
dermittel eingesetzt, die grundsitzlich fiir den Aufbau der Industrie in Ostdeutschland zur
Verfiigung stehen.

Die Industrie Ostdeutschlands ist duBerst strukturschwach. Der weit iiberwiegende Teil
der Produktion zielt auf den ostdeutschen Markt, die Industrie hat eine geringe Export-
quote, GroBbetriebe fehlen weitgehend und High-tech-Branchen haben nur ein geringes
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Gewicht. AuBerdem ist auch der Anteil von industrieller FuE sehr gering. Sie konzen-
triert sich vorwiegend in kleinen und mittleren Unternehmen. Die Ansiedlung von High-
tech-Produktionsstitten grofiler Unternehmen mit eigenen FuE-Funktionen, wie das
Halbleiterwerk von Siemens in Dresden, kann vor diesem Hintergrund ein wichtiger Bei-
trag zur Entwicklung einer leistungsfihigen Industrie in Ostdeutschland sein.

In Anbetracht insgesamt knapper Mittel konnte eingewendet werden, daf hier eine zu
groBe Konzentration der Forderung auf ein sehr kapitalintensives Werk eines GroBunter-
nehmens erfolgt. Grundsitzlich muB bei dem Einsatz von Foérdermitteln entschieden wer-
den, in welchem Umfang sie stark gestreut vor allem der Unterstiitzung kleinerer Unter-
nehmen dienen sollen oder in Grofprojekten zu konzentrieren sind. Letztlich ist dabei
nicht die "Bediirftigkeit" der zu fordernden Unternehmen die Entscheidungsgrundlage,
sondern die Anreizfunktion und die zu erwartenden wirtschaftlichen Impulse fiir die Re-
gion und die Volkswirtschaft.

Mit dem hier untersuchten offentlich geforderten Investitionsvorhaben Halbleiterwerk
Dresden der Siemens AG werden vor allem zwei Ziele verfolgt:

— Stirkung einer strukturschwachen Region und

— Verbesserung der technologischen Leistungskraft der Volkswirtschaft.

Die fiir das Investitionsvorhaben eingesetzten Fordermittel sind dann positiv zu bewer-
ten, wenn folgende Effekte eintreten:

— durch den Forderimpuls wird eine Wachstumsdynamik ausgelost, die qualifizierte Ar-
beitsplitze in der Region schafft,

— das Investitionsvorhaben zieht andere Investitionen in vor- und nachgelagerten Pro-
duktionsstufen nach,

— am Standort und dariiber hinaus entwickelt sich ein Netzwerk aus Halbleiterproduzen-
ten, qualifizierten Zulieferern und Forschungsinstitutionen sowie Unternehmen aus
Abnehmerbereichen, von dem positive externe Effekte ausgehen,

— der Standort qualifiziert sich fiir die Produktion und Entwicklung dieser Technologie,
so daB er sich bei der Investoreneinwerbung und der Entwicklung des endogenen Po-
tentials im Vergleich zu anderen Regionen Vorteile verschafft.

Vorgehensweise

Methodisch folgt die quantitative Untersuchung dem Konzept einer Wirkungsanalyse,
in der die beobachtbaren und potentiellem Effekte, die im untersuchten Wirkungsfall ein-
treten, im Vergleich zu einer definierten Referenzsituation betrachtet werden.

Der Wirkungsfall ist definiert durch eine Situation der Volkswirtschaft, die sich ent-
wickelt, nachdem die Standortentscheidung fiir eine Ansiedlung des Halbleiterwerks der
Siemens AG in Deutschland (genauer: in Dresden) getroffen wurde. Im Referenzfall
(status-quo) wird das Werk nicht in Deutschland gebaut. Die Effekte der Ansiedlung er-
geben sich dann durch einen Vergleich der 6konomischen Entwicklung im Wirkungsfall
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mit der 6konomischen Entwicklung im Referenzfall. Es wird nicht analysiert, ob eine al-
ternative Verwendung staatlicher Fordermittel zu giinstigeren oder ungiinstigeren volks-
wirtschaftlichen Wirkungen gefiihrt hitte. Angesichts einer unbegrenzten Anzahl alterna-
tiver Mittelverwendungen ist eine solche Fragestellung nicht zu beantworten.

Wesentliche Voraussetzung fiir eine solche Vorgehensweise ist zuniichst eine detaillierte
Untersuchung, welche Impulse fiir die Volkswirtschaft und die Region Dresden mit der
Ansiedlungsentscheidung verbunden sind. Dabei ist es sinnvoll, zwischen der Bau- und
Errichtungsphase, in der sich temporire Impulse ergeben, und der Betriebsphase, von der
dauerhafte Impulse ausgehen, zu unterscheiden. Zur Identifizierung und Abschitzung der
Impulse wurden umfassende Gesprache bzw. miindliche Interviews mit Vertretern

— des Investors,

— der am Entscheidungsprozef} beteiligten politischen Institutionen auf lokaler, regiona-
ler und Bundesebene,

— der Hochschul- und Forschungseinrichtungen in der Region,

— der am Investitionsvorhaben beteiligten Unternehmen (ca. 20 Unternehmen aus dem
Equipment-, Zuliefer- und Baubereich) sowie

— anderer Halbleiterhersteller
gefiihrt.

Aus den quantifizierbaren Impulsen ergeben sich auf der gesamtwirtschaftlichen und
regionalen Ebene dkonomische Folgeeffekte. Diese Folgeeffekte werden in einer modell-
gestiitzten quantitativen Analyse untersucht. Der Schwerpunkt liegt in der quantitativen
Untersuchung der Beschiftigungs- und Produktionswirkungen des Halbleiterwerks, die
sich auf gesamtwirtschaftlicher und regionaler Ebene ergeben. Als methodisches Instru-
ment wird die Input-Output-Analyse unter Beriicksichtigung von Ergebnissen aus einem
gesamtwirtschaftlichen okonometrischen Modell eingesetzt. In einer mit dieser Analyse
inhaltlich verkniipften Modellrechnung werden die finanziellen Wirkungen abgeschiitzt,
die sich aus der mit staatlichen Mitteln geforderten Standortentscheidung fiir die fiskali-
sche Position des Staates ergeben.

Neben den quantitativ abschitzbaren Effekten sind auch Wirkungen auf die wirtschaftli-
che und technologische Leistungsfihigkeit in der Region Dresden und in Deutschland zu
erwarten, die nur qualitativ beschreibbar sind. Naher untersucht werden qualitative Wir-
kungen auf die technologische Leistungsfihigkeit der Bundesrepublik Deutschland und
die externen Effekte in der Region und in Deutschland, die sich durch Wissensiibertra-
gung in dem entstehenden Netzwerk von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und
staatlichen Verwaltungen ergeben.

Um zusitzliche Anhaltspunkte fiir die zukiinftige Entwicklung des neu entstehenden Halblei-
terstandortes Dresden und die sich daraus ergebenden Handlungsoptionen fiir die Forschungs-,
Technologie- und Regionalpolitik abzuleiten, wurde im Rahmen von Fallstudien die Entwick-
lung von ausgewihlten Halbleiterstandorten untersucht. Niaher betrachtet wurden die Region
Regensburg als Teil des siiddeutschen Halbleiterstandorts, die Region Silicon Glen in Schott-
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land sowie die Region Austin/Texas. Dazu wurden Literaturrecherchen, schriftliche Unterneh-
mensbefragungen sowie Expertengespriche und Fallstudien vor Ort durchgefiihrt.

Die Darstellung der Fakten zum Investitionsvorhaben basiert, soweit nicht anders ver-
merkt, auf dem Informationsstand vom 30. September 1996, an dem auch das Geschifts-
jahr der Siemens AG endete. In der durchgefiihrten fiskalischen Modellrechnung wird fiir
den gesamten Untersuchungszeitraum die Giiltigkeit der Regelungen des Steuer- und Ab-
gabensystems aus dem Jahre 1996 unterstelit.



2. Charakteristik des Investitionsvorhabens
Halbleiterwerk Dresden

Im Dezember 1993 hat die Siemens AG, Berlin und Miinchen, in der Offentlichkeit ihre
Entscheidung bekanntgegeben, am Standort Dresden ein neues Halbleiterwerk zur Mas-
senproduktion von Halbleiterbauelementen zu errichten. Die geplanten Investitionskosten
fiir das gesamte Investitionsvorhaben am Standort belaufen sich iiber einen Zeitraum von
10 Jahren gerechnet auf 2,7 Mrd. DM'. Die Standortentscheidung fiir Dresden wurde
vom Investor - wie bei solchen Investitionsgrofvorhaben iblich - nach einem intensiven
und umfassenden Vergleich mit anderen moglichen Standorten in den Triaderegionen ge-
troffen. Auf die wesentlichen Faktoren der Standortwahl fiir Halbleiterwerke wird in
Kapitel 3 eingegangen. Die Entscheidung zum Bau des Halbleiterwerks Dresden ist eine
der bedeutendsten Standortentscheidungen fiir eine High-tech-Produktionsanlage in Euro-
pa und vom Umfang die groBite Investitionsentscheidung, die bisher fiir einen Halbleiter-
standort in Deutschland getroffen wurde. Das Halbleiterwerk SIMEC ist zum Zeitpunkt
seiner Inbetriebnahme das modernste Halbleiterwerk in Europa.

In diesem Kapitel wird zunichst eine knappe Beschreibung des Investitionsvorhabens
Halbleiterwerk SIMEC gegeben, die nur in dem Umfang auf die technischen Charakteri-
stika des Werkes eingeht, wie dies fiir die weitere Untersuchung notwendig ist. Danach
wird auf die Marktentwicklung im Halbleiterbereich und deren EinfluB auf die Investiti-
onsentscheidung eingegangen. In einem dritten Abschnitt werden die Instrumente und der
Umfang der staatlichen Forderung im Zusammenhang mit der Standortentscheidung dar-
gestellt.

2.1. Beschreibung des Halbleiterwerks SIMEC Dresden

Die Beschreibung des Investitionsvorhabens basiert auf miindlichen und schriftlichen
Informationen des Investors. Soweit sich Anderungen gegeniiber den urspriinglichen Pla-
nungen ergeben haben, wird auf diese Abweichungen hingewiesen. Es wird auch kurz auf
die zeitlichen Abldufe der Planung, des Baus und der Inbetriebnahme eingegangen.

" Eine detaillierte Untersuchung, fiir welche Investitionszwecke diese Summe in der Bau- und Errich-
tungsphase eingesetzt wird, wird in Kapitel 4.1 durchgefiihrt.
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Bauliche und technische Charakteristika des Werkes®

Das Werk umfaBt zwei Produktionsmodule, die jeweils einen Reinraum mit einer Rein-
raumfliche von 5400 m® der Reinraumklasse 1 haben’. Weitere Bestandteile des Werk-
komplexes sind ein zwischen den Modulen angeordnetes zentrales Versorgungsgebiude,
ein Peripheriegebiude, ein Gebiude fiir chemische Anlagen und technische Dienste sowie
ein Biiro- und Verwaltungsgebiude. Insgesamt hat das Werk eine bebaute Fliche von
35 500 m” und eine Bruttogeschoffliche von 120 000 m’.

Das Halbleiterwerk Dresden wird mit der modernsten derzeit verfiigbaren ProzeBtech-
nologie fiir die Massenfertigung von integrierten Schaltkreisen ausgeriistet. Das einge-
brachte Fertigungsequipment erlaubt nach derzeitiger Planung eine Fertigungskapazitit
von 7 500 Wafertarts/Woche fiir 8“-WafergroBe’. Jeder Wafer durchliuft im Zuge seiner
Bearbeitung in der Waferfab eine grofie Zahl von Bearbeitungsschritten. Insgesamt sind in
das Modul 1 mehr als 400 Grofigerite zur Waferbearbeitung eingebracht worden. Die
Fertigungsanlagen sind auf die Produktion von Halbleiterbauelementen bis hinab zu einer

Strukturgrofie von 0,25 pm ausgelegt.

Insgesamt werden im Halbleiterwerk nach derzeitigen Planungen 1 850 Mitarbeiter be-
schiftigt sein. Gegeniiber der zum Zeitpunkt der Standortentscheidung fiir Dresden ge-
planten Mitarbeiterzahl von 1 450 Personen bedeutet dies ein Erhohung um 25 %°.

Als Produkte sind in den ersten Jahren vorrangig Speicherbausteine und entsprechende
Produktderivate vorgesehen. Speicherbausteine eignen sich wegen ihres im Vergleich zu
Logikbausteinen einfacheren Designs als Leitprodukte zur Einfithrung von Halbleiterfer-
tigungsprozessen kleinerer Strukturgrofien in die Massenproduktion. Die Produktion be-
ginnt mit der Fertigung von 16-MBit DRAM® (Beginn der Serienproduktion 1996). Fiir
1997 ist die Aufnahme der Massenproduktion von 64-MBit DRAM geplant, zu einem
spiteren Zeitpunkt, wahrscheinlich gegen Ende der 90er Jahre, die Fertigung von
256-MBit-DRAM. Welches genaue Produktspektrum im Halbleiterwerk gefertigt wird,
ist im wesentlichen von der Marktentwicklung in den unterschiedlichen Segmenten des

% Zusitzliche Informationen sind in einer Veroffentlichung der Siemens AG, Bereich Halbleiter, unter
dem Titel ,High-Tech in europdischer Dimension - Halbleiterwerk Dresden* enthalten, vgl. Siemens
(1996).

3 Der Baugrund fiir ein drittes Modul wurde vorbereitet, um im Falle einer potentiellen Erweiterung,
die nach derzeitigem Wissen im Moment jedoch nicht zur Entscheidung ansteht, die dann notwendigen
Bauarbeiten ohne Beeintrichtigung des Fertigungsprozesses in den beiden produzierenden Modulen
durchfiihren zu kénnen.

4 Urspriinglich war eine Fertigungskapazitit von 5600 Waferstarts/Woche geplant. Durch eine platz-
sparende Einbringung des Equipments und andere Prozefoptimierungen konnte die Fertigungskapazitit
um rund ein Drittel gesteigert werden.

’ Detaillierte Strukturangaben zur Beschiftigung im Werk werden im Kapitel 4.2.1.2 gemacht.

S Siemens verfiigt gemeinsam mit IBM bereits iiber eine Fertigungslinie fiir 16-MBit-DRAM in Cor-
beil-Essones (bei Paris) mit einer Fertigungskapazitit von 3 600 Waferstarts/Woche (50 % IBM/50%
Siemens).
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Halbleitermarktes und natiirlich von der Verfiigbarkeit wettbewerbsfihiger Produktvarian-
ten des Betreibers abhingig.

Neben der eigentlichen Waferfertigung (Front-end) ist auch geplant, einen Teil der pro-
duzierten Wafer in Dresden direkt zu Endprodukten weiterzuverarbeiten (Priffung und
Montage im sogenannten Back-end-Bereich). Das genaue Ausmafl der Weiterverarbeitung
im Back-end-Bereich ist vor dem Hintergrund des weltweiten Produktionsverbundes der
Siemens AG im Geschiftsbereich Halbleiter zu sehen, der iiber Fertigungsstitten im
Back-end-Bereich in Singapur, Malacca und Penang (beide in Malaysia) und zukiinftig in
Portugal verfiigt.

Im Front-end-Bereich hat das Halbleiterwerk Dresden einen Pilot- und Innovationsbe-
reich (Center of Development and Investigation (CDI)) zur Weiterentwicklung der Pro-
zeBtechnologie. Dieser Bereich wurde gegeniiber den urspriinglichen Planungen des In-
vestors dadurch aufgewertet, da Dresden nun fiir den gesamten Konzern als Kompetenz-
zentrum zur Entwicklung von Fertigungsprozessen fiir Logikbausteine ausgebaut wird.

Schnelle Planung und kurze Genehmigungsverfahren

Die konkreten Planungen zur Projektrealisierung begannen im Januar 1994. Im Januar
1994 wurde auf regionaler Ebene ein Projektteam mit Mitgliedern aus der Landesregie-
rung des Freistaates Sachsen, aus dem Regierungsprisidium Dresden und aus Amtern der
Stadtverwaltung Dresden gegriindet, um gemeinsam mit dem Investor die notwendigen
Planungs- und Entscheidungsprozesse zu begleiten und zu beschleunigen. Zur Errichtung
und zum Betrieb des Halbleiterwerks wurde am 20. April 1994 in Dresden die ,,Siemens
Microelectronics Center GmbH & Co. OHG* (SIMEC) gegriindet. Als Standort fiir das
Werk wurde nach einer Analyse von 14 alternativen Flichen ein Gelinde von 26 ha an
der Konigsbriicker Landstrafie im Norden von Dresden ausgewihlt. Als Auswahlkriterien
waren neben der Grofe und Verfiigbarkeit der Fliche vor allem bodenphysikalische Ei-
genschaften (Schwingungsbelastung) entscheidend. Als ehemaliges Kasernengeldnde der
GUS-Streitkrifte war das Gebiet zum damaligen Zeitpunkt als Landschaftsschutzgebiet
ausgewiesen. Am 19. Mai 1994 wurde das Vorhaben durch die Stadtverordnetenversamm-
lung Dresden genehmigt und damit die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Bau-
ausfiihrung geschaffen. Damit konnte die Planungs- und Genehmigungsphase auf weniger
als 5 Monate begrenzt werden, was nach Angaben des Investors schneller als die Pla-
nungs- und Genehmigungsphase bei bisher bekannten internationalen Vergleichsprojekten
1St.

Bauausfithrung und Inbetriebnahme

Im Juni 1994 fand die Grundsteinlegung und der Beginn der Erdarbeiten statt, im Juli
1994 war der Beginn der eigentlichen Bauausfiihrung. Richtfest fiir das Bauvorhaben war
am 11. November 1994. Die Bezugsfertigkeit (Ready for equipment) fir Modul 1 war am
2. Mai 1995, so daB etwa 15 Monate nach Beginn der Planungen mit der Einbringung des
Equipments begonnen werden konnte. Am 10. November 1995 war Produktionsbeginn in
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Modul 1. Der Beginn der Massenproduktion von Produkten, die zur Auslieferung an
Kunden bestimmt sind, konnte im Verlauf des Jahres 1996 schneller erreicht werden, als
urspriinglich bei der Projektplanung vorgesehen war.

Ubersicht 2.1-1
Technische Charakteristika des Halbleiterwerks SIMEC

Bebaute Fliche 35 500 m2
Bruttogeschoffliche 120 000 m2
Reinraum 2 Module mit jeweils 5 400 m2
Reinraumklasse 1
Fertigungstechnologie 0,5-0,25 ym
8“-Wafer
Produktionskapazitit 7 500 Waferstarts/Woche
Produktspektrum (vorrangig) 16-MBit-DRAM (1996)
64-MBit-DRAM (1997)
256-MBit-DRAM (Ende 90er Jahre)
Quelle: Angaben der Siemens AG.

2.2. EinfluBl der Marktentwicklung auf die Investitionsentscheidung

Die Siemens AG ist im Halbleiterbereich in den meisten Marktsegmenten vertreten. Das
Unternehmen bietet etwa 3 000 verschiedene integrierte Schaltungen und mehr als 4 000
diskrete Halbleiter an. Siemens ist das einzige in Europa beheimatete Unternehmen, das
auch DRAM-Speicher (Dynamic Random Access Memory) entwickelt und in Massenfer-
tigung herstellt.

Technologie

DRAM sind universell einsetzbare integrierte Schaltkreise (Integrated Circuit: IC). Sie
haben innerhalb des Gesamtmarktes der Halbleiterprodukte den grofiten Anteil. Halblei-
terprodukte lassen sich nach ihren technischen Funktionen wie folgt klassifizieren:

— integrierte Schaltkreise,

— mit analoger Signalverarbeitung (Verstirker),

— digitaler Signalverarbeitung (Speicher- und Logikchips, Prozessoren),
— Leistungsbauelemente (Smart-Power-ICs),
— diskrete Halbleiter (Transistoren, Dioden, optoelektronische Bauelemente).

Die wichtigste Basistechnik fiir integrierte Schaltkreise ist die MOS-Technologie
(Metaloxide Semiconductor). Besondere Bedeutung hat dabei die CMOS-Technologie
(Complementary MOS), deren Leitprodukt der DRAM ist. Aufgrund der einfachen
Strukturen dieses Produkts erreicht es zuerst das jeweils hochste Integrationsniveau von
Funktionen auf einem integrierten Schaltkreis und durchlduft dann eine Lernkurve, der
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andere Bauelemente (Logikbausteine, Prozessoren) folgen. Die Beherrschung dieser
Technologie fir DRAMSs ist also eine Voraussetzung fiir die Erhohung des Integrations-
grades bei anderen Bauelementen.

Siemens hat 1967 die ersten integrierten Schaltungen in Europa produziert. Danach
wurden alle Speichergenerationen bis zum 256-MBit-DRAM allein oder mit Partnern
entwickelt und zur Fertigungsreife gebracht. CMOS-Prozesse werden von Siemens fiir
analoge und digitale Schaltungen sowie Mischtechnologien eingesetzt’.

Internationalisierung der Produktion

Die Standortsuche des Investors zum Aufbau eines der technologisch fiihrenden Halblei-
terwerke wurde durch einen von 1993 bis 1995 anhaltenden Nachfrageiiberhang im
DRAM-Markt ausgelost, der weltweit die Halbleiterproduzenten zu Investitionen in Fer-
tigungsanlagen angeregt hat. In einem dynamisch wachsenden Markt erfordert allein das
Sichern von Weltmarktanteilen den Ausbau der Produktionskapazititen. Die grofien
Halbleiterhersteller bedienen mit den Produkten aus den Waferfabs den Weltmarkt, ten-
dieren jedoch immer mehr dazu, Produktionsstitten in allen Triaderegionen USA, Europa
und Siidostasien zu errichten. Die US-amerikanischen Unternehmen haben ihre Globali-
sierung am weitesten vorangetrieben. Sie haben bereits in den 60er Jahren Produktions-
stdtten, vor allem fiir arbeitsintensive Montage- und Testfunktionen, in Malaysia, Singa-
pur, den Philippinen, Sidkorea und Mexiko errichtet. Seit den 70er Jahre haben sie auch
Front-end-Fabriken in Europa und seit Mitte der 80er Jahre auch in Asien aufgebaut. Eu-
ropédische Unternehmen haben Montage- und Testfunktionen nach Asien verlagert. Japa-
nische Unternehmen hatten ihre Produktionsstitten mit Ausnahme von Back-end-Fabriken
lange in Japan konzentriert und haben erst seit Mitte der 80er Jahre ihr Auslandsengage-
ment erhoht. Gegenwirtig flieBt etwa ein Viertel ihrer Investitionen ins Ausland®. In den
90er Jahren fithren auch koreanische Halbleiterhersteller im Ausland Investitionen durch.
Beispiele sind die Waferfabs von Samsung in Texas /USA, von Hyundai in Oregon/USA
und Schottland/Grof3britannien.

Insgesamt waren im Jahr 1993 nach Angaben von Dataquest etwa 750 Produktionslinien
fir die Halbleiterfertigung in Betrieb. Mindestens 300 Linien (42 %) gehorten US-
amerikanischen Unternehmen, 250 Linien japanischen Unternechmen (34 %) und etwa
100 Linien (14 %) europiischen Unternehmen. Der Anteil siidostasiatischer Unternehmen
lag mit etwa 80 Produktionslinien bei 10 %. Der Anteil der US-amerikanischen Ferti-
gungslinien im Ausland ist mit 15 % am hochsten. Da die Fertigungen im Ausland durch-
schnittlich groBer und jiinger sind als die in den USA, werden schitzungsweise 30 % des
Umsatzes im Ausland generiert. 8 % der japanischen Linien befinden sich im Ausland
und erzeugen etwa 15 % des Umsatzes japanischer Unternehmen. Mit 35 Fertigungen im
Eigentum von aufiereuropdischen Unternehmen bei insgesamt 120 Linien hatte Europa

7 Vgl. Siemens (1994).
¥ Vgl. Sumita (1995).

2 Belitz u. a.
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den hochsten Anteil einflieBender Direktinvestitionen. 85 % dieser auslindischen Ferti-
gungslinien gehorten US-amerikanischen Unternehmen. Da auch diese Linien auslindi-
scher Unternehmen durchschnittlich grofer waren und eine hohere Produktivitit hatten
als einheimische Werke, wird geschitzt, da 40 % des Halbleiterverbrauchs in Europa
dort von auslindischen Unternehmen produziert wurde. Von den 280 Halbleiterferti-
gungen in den USA wurden nur etwa 8 % von auslindischen Unternehmen betrieben.
Mehr als die Hilfte davon gehorten japanischen Unternehmen. In Japan ist der Anteil
auslindischer Direktinvestitionen in der Halbleiterindustrie am geringsten. Nur das Un-
ternehmen Texas Instruments hatte im Jahr 1993 in Japan bedeutende Produktionskapazi-
titen mit 5 Waferfabs und drei Joint Ventures. Dagegen haben die auslindischen Direk-
tinvestitionen in Siidostasien groBe Bedeutung fiir die Halbleiterindustrie’.

Regionalstruktur von Nachfrage und Angebot

Waihrend auf Europa im Jahr 1994 etwa 19 % der weltweiten Nachfrage nach Halblei-
terbauelementen entfielen, befanden sich dort nur etwa 14 % der Produktionskapazititen.
Die durchschnittliche jahrliche Wachstumsrate der Investitionen lag im Zeitraum von
1989 bis 1994 in Europa mit fast 16 % hoher als in den USA und Japan, deren jeweiliger
Anteil an der Weltproduktion ihren jeweiligen Anteil an der Weltnachfrage deutlich
iiberstieg. Nur in der Region Asien/Pazifik wuchsen die Investitionen in diesem Zeitraum
mit jahrlich durchschnittlich 25 % schneller als in Europa. Dort ist allerdings die
»Licke“ zwischen Nachfrage und Produktion noch gréBer als in Europa. In den Jahren
1994 und 1995 entfielen jedoch nur gut 11 % der weltweiten Investitionen im Halbleiter-
bereich auf Europa.

Marktprognosen

Von 1993 bis 1995 lag die jihrliche Wachstumsrate des Weltmarktes fiir Halbleiter-
Bauelemente zwischen 29 % (1993) und 42 % (1995). Fiir den Zeitraum von 1996 bis
zum Jahr 2000 rechnete Dataquest noch im April 1996 mit einem durchschnittlichen jihr-
lichen Marktwachstum von 15 %. Diese Zahlen mufiten im Herbst 1996 nach dem Preis-
verfall insbesondere im Speicherbereich im ersten Halbjahr 1996 revidiert werden. Nach
Angaben der World Semiconductor Trade Statistic (WSTS)'® wird der Halbleiterwelt-
markt von 144 Mrd. US-$ im Jahr 1995 auf 129 Mrd. US-$ im Jahr 1996 zuriickgehen.
Fir die Folgejahre wird allerdings wieder mit einem kriftigen Wachstum gerechnet
-7,4 % (1997), 17 % (1998) und 22 % (1999) - so daff der Weltmarkt im Jahr 1999 vor-
aussichtlich ein Volumen von 198 Mrd. US-$ erreicht''.

s Dataquest, zitiert in: Surnita (1995).

1% Die WSTS ist die Organisation der Halbleiterhersteller aus aller Welt, die den Verbrauch von Halb-
leiterbauelementen erfafit und eigene Marktprognosen erarbeitet.

"' vgl. Schulz (1996).
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Tabelle 2.2-1

Regionalstruktur der Produktion und der Nachfrage
nach Halbleiterbauelementen 1994

Produktion Nachfrage Investitionen
in % in % Jidhrliche Wachstumsrate

1989-94 in %
Nordamerika 35,8 32,9 13,6
Japan 39,7 28,9 44
Europa 14,0 19,1 15,9
Asien/Pazifik 10,5 18,6 25,1
Insgesamt 100,0 99,5 12,5

Quellen: Dataquest, WSTS.

Tabelle 2.2-2

Regional- und Eigentiimerstruktur der weltweiten Investitionen
im Halbleiterbereich 1994/95

Welt Nord- Japan Europa Asien/
amerika Paziftik
in Mill. US-$
US-amerikanische Unternehmen 222449 16 187,3 11547 24824 2420,5
Japanische Unternehmen 19 781,6 1936,4 15275,3 1 146,8 1424,1
Europdische Unternehmen 4 978,0 7445 1,0 3166,8 1 065,7
Asiatisch-pazifische Unternehmen 13 025,7 482.5 0,0 69,5 124737
Unternehmen insgesamt 60 030,3 19 350,7 16431,1 68653 17384,1
in %
US-amerikanische Unternehmen 100,0 72,8 52 11,2 10,9
Japanische Unternehmen 100,0 9,8 77,2 5,8 7,2
Européische Unternehmen 100,0 15,0 0,0 63,6 21,4
Asiatisch-pazifische Unternehmen 100,0 3,7 0,0 0,5 95,8
Unternehmen insgesamt 100,0 32,2 27,4 11,4 29,0

Quelle: Dataquest, Berechnungen des DIW.

DRAM hatten 1995 mit 41 Mrd. US-$ einen Anteil von 28 % am gesamten Weltmarkt-
volumen im Halbleiterbereich von 144 Mrd. US-$. In den Jahren 1994 und 1995 ist der
DRAM-Markt gegeniiber dem Vorjahr um 78 bzw. 74 % gestiegen. Fiir 1996 rechnet die
WSTS allerdings nach dem rapiden Preisverfall in der ersten Jahreshilfte mit einem
Riickgang des Marktvolumens fiir DRAM auf knapp 25 Mrd. US-$. 1997 soll der Markt
noch einmal schrumpfen und ein Volumen von nur noch 21 Mrd. US-$ erreichen. Danach
werden aber wieder kriftige Wachstumsraten erwartet, so da der DRAM-Markt im Jahr
1999 einen Umfang von etwa 39 Mrd. US-$ haben konnte. Der Absatz von DRAM nach
Stiickzahlen wird von den Schwankungen des wertmiBigen Marktvolumens, die auf
preisliche Schwankungen zuriickgehen, aber kaum beeinflufit. Das sogenannte Bitwachs-
tum wird nach Ansicht von Experten auch weiterhin etwa 60 % jahrlich betragen. Der

2%
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Markt fiir Logikbausteine (MOS-Logik) wird nach den Prognosen der WSTS von
20 Mrd. US-$ im Jahr 1996 auf etwa 30 Mrd. US $ im Jahr 1999 wachsen.

Abbildung 2.2-1

Weltmarkt fir Halbleiter, DRAM und Logikbausteine

1992 - 1999
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Quelle: WSTS, Herbst 1996. DIw 96

Trotz des Marktriickgangs bei DRAM in den Jahren 1996 und 1997 wird mittelfristig
von den Marktforschern und der Industrie wieder eine Expansion des Marktes fir DRAM
und Logikbausteine mit iiberdurchschnittlichen Wachstumsraten erwartet. Siemens ist mit
seinem Werk in Dresden in diesen Marktsegmenten aktiv. Diese Chancen versuchen auch
andere Unternehmen zu nutzen, indem sie in die Errichtung neuer Werke investieren.
Von Mitte 1995 bis Mitte 1996 sind weltweit 34 MOS-Fabriken mit Strukturbreiten unter
0,7 um und einer jeweiligen Kapazitit von mindestens 5 000 8-Zoll-Waferstarts pro Wo-
che errichtet worden. 14 iltere Fabriken wurden im gleichen Zeitraum geschlossen. Die
Zahl der Waferstarts pro Woche in der MOS-Fertigung mit Strukturbreiten unter 0,7 um
war im ersten Halbjahr 1996 fast doppelt hoch wie im ersten Halbjahr 1995. Daran ge-
messen ist der Rickgang der Kapazitdtsauslastung der Chipfabriken weltweit im ersten
Halbjahr 1996 gering und deutet auf ein ununterbrochenes Mengenwachstum hin'>. Die
Wettbewerbsintensitit in diesen Marktsegmenten wird zunehmen.

12 SICAS-Report (September 1996), Semiconductor International Capacity Statistics, zitiert in: Chipfa-
briken: Auslastung gesunken. Markt & Technik, Nr. 46 vom 15.11.1996, S. 3.
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Internationalisierung von Produktion und Forschung im Halbleiterbereich von Siemens

Seit dem Beginn der 90er Jahre hat Siemens die Internationalisierung der Produktion
und Forschung bei DRAM entscheidend vorangetrieben. Dies geschah vor dem Hinter-
grund optimistischer Marktprognosen und dem strategischen Ziel des Unternehmens, sei-
ne Position auf dem Weltmarkt zu verbessern. Gemeinsam mit IBM fertigt Siemens seit
1993 in Frankreich 16-Mbit-DRAM. Mit IBM und Toshiba bestehen Allianzen zur Ent-
wicklung der 64- und 256-MBit-DRAM-Technologie. Die Prozefitechnologie wird von
Siemens mit den Partnern in East Fishkill und Burlington in den USA entwickelt. In Ne-
wcastle (Grofibritannien) errichtet Siemens eine Fabrik fir DRAM und Logik-Bausteine,
die 1997 in Betrieb gehen wird. In Porto-Braga (Portugal) entsteht bis 1997 ein Back-end-
Werk. Mit Motorola wird ein Werk fiir 64-MBit-DRAM in Richmond in den USA ge-
baut, das 1998 die Produktion aufnehmen soll. In Taiwan ist ein Joint Venture zur
DRAM-Fertigung mit Mosel-Vitelic geplant.

Tabelle 2.2-3

Kennzahlen des Geschiftsbereiches Halbleiter der Siemens AG
in den Geschiftsjahren 1990/91 bis 1995/96

(Geschiftsjahr vom 1.10. bis 30.9.)

1990/91  1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
Auftragseingang (Mill. DM) | 2100 2000 2600 3600 4900 4800

Umsatz (Mill. DM) 2000 1900 2145 3060 4163 4980
Ergebnis (Mill. DM) - - -439 173 793 603
Investitionen (Mill. DM) 345 470 522 667 1300 -
Mitarbeiter - - 12630 13783 15868 19800

Quelle: Geschiftsberichte der Siemens AG, Luber (1996).

Im Geschiftsbereich Halbleiter von Siemens stieg die Zahl der Mitarbeiter von 12 630
im Jahr 1993 auf 19 800 im Jahr 1996. Der Umsatz liegt 1996 bei knapp 5 Mrd. DM.
Eine weitere Ausdehnung diese Geschiiftsbereiches auf etwa 27 500 Mitarbeiter und einen
Umsatz von 13 Mrd. DM im Jahr 2000 ist geplant".

Bereits in den letzten Jahren konnte Siemens seine Marktposition in Europa wesentlich
verbessern. Nach Angaben von Dataquest lag das Unternehmen im Jahr 1993 mit einem
Umsatz in Europa von 1,04 Mrd. US-$ noch auf Platz 4 der Rangliste der Marktfiihrer in
Europa, im Jahr 1995 mit 2,06 Mrd. US-$ bereits auf Platz 2. Der weltweite Umsatz des
Halbleiterbereiches von Siemens stieg im gleichen Zeitraum von 1,51 Mrd. US-$ auf
3,06 Mrd. US-$, womit eine Verbesserung in der weltweiten Rangfolge der Halbleiter-
hersteller von Platz 18 auf Platz 15 verbunden war. Etwa zwei Drittel des Halbleiterum-
satzes von Siemens werden nach wie vor in Europa realisiert. Europa bleibt deshalb auch

' Vgl. Luber (1996).
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Ubersicht 2.2-1
Halbleiter-Standorte von Siemens weltweit

Miinchen-Perlach:
Forschungs- und Entwicklungszentrum, (Integrated Submicron
Technology Center)
Miinchen-Balanstrafie:
erste selbstindige Produktionsstitte, Anfang der 60er Jahre
Regensburg:
passive Bauelemente ab 1959/60, DRAM seit 1986, heute: 4-Mbit-DRAM,
Optoelektronik, Chipkarten-Module
Villach (Osterreich):
seit 1970, zunichst DRAM, heute: Zentrum fiir Leistungshalbleiter
Singapur:
seit 1970, Montage, Priifung
Malacca (Malaysia):
seit 1973, Montage, Priifung
Penang (Malaysia):
seit 1977, Montage, Priifung
Cupertino (USA):
seit 1979, Optohalbleiter und LED, 32-bit-Microcontroller-Projekt
Corbeil-Essonnes (Frankreich):
seit 1993, Produktion 16-Mbit-DRAM, mit IBM
Dresden:
16-Mbit-DRAM seit November 1995
Newcastle (Grofibritannien):
DRAM und Logik-IC, Produktionsbeginn 1997,
Investitionen: 2 Mrd. DM, 1500 Mitarbeiter
Richmond (USA):
64-Mbit-DRAM-Fertigung mit Motorola, Produktionsbeginn 1998,
Investitionen: 1,5 Mrd. US-$, 1000 bis 1500 Mitarbeiter
Porto-Braga (Portugal):
Montage, Test DRAM (Back-end) ab 1997,
Investitionen: 585 Mill.DM, 750 Mitarbeiter
Hsinchu (Taiwan):
DRAM-Fertigung mit Mosel-Vitelic,
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nach der Verwirklichung der bisher bekannten Investitionspldne der wichtigste Produkti-
onsstandort von Siemens.

2.3. Instrumente und Umfang der staatlichen Forderung

Die Ansiedlungsentscheidung fiir das Halbleiterwerk Dresden wurde vom Investor auf
der Basis eines unternehmensinternen Vergleichs der Vorteilhaftigkeit alternativer Pro-
duktionsstandorte getroffen. Eine solche Standortentscheidung bezieht neben anderen
Uberlegungen auch die Wirkungen der am jeweiligen Standort verfiigbaren staatlichen
Fordermittel auf die Vorteilhaftigkeit des Standorts mit ein.

Die an einem Standort fiir ein Investitionsprojekt verfiigbaren Fordermittel ergeben sich
zum einen aus den staatlichen Fordermitteln, auf die der Investor auf Grundlage der ak-
tuellen steuerlichen Regelungen einen Anspruch hat. Daneben gibt es Forderprogramme
bzw. Fordermittel, bei denen alle Unternehmen, die die Bedingungen der Forderrichtlini-
en erfiillen, antragsberechtigt sind, ohne daB im Einzelfall ein Rechtsanspruch auf Forde-
rung besteht. Uber diese im allgemeinen geltenden Forderbedingungen hinaus wird in
Einzelfillen, bei denen es sich in der Regel um GroBiinvestitionen handelt, auf Grund ei-
nes politischen Entscheidungsprozesses iiber die regionale oder volkswirtschaftliche Be-
deutung der Standortentscheidung eine zusitzliche, auf die Bedingungen des konkreten
Investitionsvorhabens zugeschnittene Forderung gewahrt.

In den Lindern der Europiischen Union (EU) miissen die konkreten Forderbedingun-
gen fiir eine Unternehmensansiedlung von der Kommission genehmigt bzw. notifiziert
werden.

Die Darstellung der fiir das Investitionsvorhaben Halbleiterwerk SIMEC anzusetzenden
Fordermittel beruht auf Angaben des Sichsischen Staatsministeriums fir Wirtschaft und
Arbeit, auf Angaben des Investors und in der Offentlichkeit zuginglichen Informationen.

Fordermafnahmen, auf die Rechtsanspruch besteht

In den neuen Bundeslindern hat jeder Investor aus dem verarbeitenden Gewerbe einen
Rechtsanspruch auf eine Investitionszulage in Hohe von 5 % fiir neue abnutzbare, beweg-
liche Wirtschaftsgiiter des Anlagevermdgens'®. Nach Angaben des Investors sind dem
Unternehmen aus diesem Rechtsanspruch im Jahr 1996 Fordermittel in Hohe von
28 Mill. DM zugeflossen. Fiir das Jahr 1997 wird mit einem ZufluB von 32 Mill. DM, in
den Jahren 1998 und 1999 mit Zufliissen von jeweils 30 Mill. DM gerechnet. Insgesamt
ergibt sich damit aus der Investitionszulage eine Fordersumme von 120 Mill. DM.

' Nach den derzeit gelienden Regelungen aus dem Jahressteuergesetz 1996 ist diese Regelung bis zum
31.12.1998 befristet. Mittelstindische Unternehmen haben einen Anspruch auf eine Investitionszulage
von 10 %. Die Investitionszulage ist nicht zu versteuern. Die Forderwirkung erhoht sich dadurch im
Vergleich zu anderen Fordermafinahmen.
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Zusitzlich besteht ein Anspruch auf Sonderabschreibungen von 50 % der Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten'’, die im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung und in
den vier darauf folgenden Jahren in Anspruch genommen werden konnen. Der Subventi-
onswert dieser Regelung besteht in der Moglichkeit, durch das Vorziehen von Abschrei-
bungen die zeitliche Struktur der auf den Gewinn zu zahlenden Steuern zu beeinflussen.
In der Regel werden durch die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen Gewinnsteu-
ern zu einem spéteren Zeitpunkt gezahlt, so daf fiir die Unternehmen ein Zinsvorteil ent-
steht. Eine quantitative Abschitzung des Zinsvorteils, der im Fall des Halbleiterwerks
SIMEC entsteht, ist nicht mt‘)glichm. Der Subventionswert dieses Fordertatbestandes
diirfte in Relation zu den iibrigen gewihrten Fordermitteln eher gering sein.

Fordermafinahmen ohne Rechtsanspruch, fiir die alle Investoren antragsberechtigt sind

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe , Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur“ (GA) konnen Investitionsvorhaben in den neuen Bundeslindern durch einen Investiti-
onszuschufl gefordert werden. Die Antrage fir Forderung miissen vor Beginn des In-
vestitionsvorhabens gestellt werden. Zur Zeit der Antragstellung fiir das Halbleiterwerk
SIMEC belief sich der Investitionszuschufl auf 23 % der forderfihigen Investitionskosten.
Forderfihig sind die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der zum Investitionsvorha-
ben zihlenden Wirtschaftsgiiter des Sachanlagevermogens bis zu einer Fordersumme von
1 Mill. DM je geschaffenem Dauerarbeitsplatzm.

Laut Angaben des Sichsischen Staatsministeriums fiir Wirtschaft und Arbeit betrigt die
gesamte GA-Forderung fiir das Halbleiterwerk SIMEC 348 Mill. DM"™. Geflossen sind
diese Mittel in den Jahren 1994 bis 1996.

Der Freistaat Sachsen fordert im Rahmen seines Projektes ,,Zielorientierte Arbeitsfor-
derungs-, Beschiftigungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft” (Z-ABS) die zielorien-
tierte Qualifizierung von Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen,

5 Sonderabschreibungen werden gewihrt fiir die Anschaffung und Herstellung von abnutzbaren be-
weglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgiitern des Anlagevermdgens sowie Ausbauten und Erweite-
rungen an Gebiuden des Anlagevermogens. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Fordergebietsge-
setz in der Fassung vom 1. Januar 1994 und dem Jahressteuergesetz 1996.

' Die Inanspruchnahme des Sonderabschreibungen beruht im wesentlichen auf steuertechnischen
Uberlegungen, die fiir die Siemens AG insgesamt zu treffen sind.

"7 Die Fordermitte] werden vom Bund, von den Lindern und von der EG im Rahmen der EG-
Regionalfonds (EFRE) zur Verfiigung gestellt. Laut Angaben der Sichsischen Aufbaubank sind bei der
Forderung von SIMEC keine EG-Mittel eingesetzt worden.

"* Im Fall des Halbleiterwerks Dresden wird wegen der Kapitalintensitit der Fertigung die forderfahige
Investitionssumme durch die Zahl der geschaffenen Arbeitsplitze im Werk bestimmt. Ob sich aus der
zwischenzeitlichen Erhohung der Arbeitsplitze im Werk auf 1 850 Personen ein verdnderter Fordertat-
bestand ergibt, ist nach vorliegenden Informationen noch nicht entschieden.

' Darin ist ein ZuschuB fiir die Schaffung hochwertiger Arbeitsplitze enthalten. Nach eigenen Schit-
zungen diirfte dieser Anteil der Férderung zwischen 3 und 15 Mill. DM betragen.
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wenn anschlieBend die Ubernahme in ein Dauerarbeitsverhiltnis gewihrleistet ist”. Die
Forderung ist auf in Sachsen wohnhafte Personen beschrinkt und umfafit neben Zuschiis-
sen in der Qualifizierungsphase auch Lohnkostenzuschiisse von bis zu 20 % fiir die Dauer
von 6 Monaten nach Ubernahme in ein Dauerarbeitsverhiltnis.

Im Zusammenhang mit dem Halbleiterwerk ist geplant, bis zu 650 Personen (200 ,,Spe-
zialisten“, 400 Operatoren) nach den Richtlinien dieses Programms zu fordern. In den
Jahren 1995 und 1996 sind nach Angaben des Investors 20 Millionen DM an Fordermit-
teln aus dieser MafBnahme geflossen.

Andere Fordermafinahmen

Der Freistaat Sachsen fordert die Ansiedlung des Halbleiterwerks SIMEC in Dresden
durch die Zahlung eines Zinszuschusses. Durch die Zahlung des Zinszuschusses sollen
die in der Anfangsphase eines Halbleiterwerks wegen der hohen Abschreibungen auf
Sachanlagen iiblicherweise auftretenden Verluste gemindert werden. Nach Angaben des
Sichsischen Staatsministeriums fiir Wirtschaft und Arbeit wird der Zinszuschuss in den
Jahren 1995 bis 1999 in jdhrlichen Raten von 90 Mill. DM ausgezahlt, so daB} sich aus
diesem Fordertatbestand in der Summe eine Forderung in Hohe von 450 Mill. DM er-
gibt.

Im Zusammenhang mit der Ansiedlungsentscheidung hat das damalige Bundesministeri-
um fiir Forschung und Technologie (BMFT) im politischen Raum eine Absichtserklirung
abgegeben, Verbundprojekte im Zusammenhang mit SIMEC mit bis zu 300 Mill. DM in
den nichsten 10 Jahren zu fordern. Die konkrete Bewilligung erfolgt aut Grundlage der
allgemeinen Regeln zur Projektforderung. Die tatsdchliche zukiinftige Fordersumme 148t
sich nicht abschitzen und bleibt bei der zusammenfassenden Darstellung der Fordermittel
aufler Betracht. Dies gilt auch fiir Projektférderung, die moglicherweise von anderen
Forderebenen (EU, Land) geflossen ist oder moglicherweise in Zukunft fliefen wird.

Bei der quantifizierten Zusammenstellung der im Zusammenhang mit der Ansiedlung
des Halbleiterwerks SIMEC gezahlten Fordermittel werden also folgende Komponenten
beriicksichtigt:

— Gemeinschaftsaufgabe ,, Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” (GA-Forde-
rung)

— Investitionszulage laut Investitionszulagengesetz
— Zinszuschuf} des Freistaats Sachsen

— Forderung aus dem Projekt ,,Zielorientierte Arbeitsforderungs-, Beschiftigungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft“ (Z-ABS).

% Die Einzelheiten der Forderbedingungen sind in einer Richtlinie zur ,Zielorientierten Arbeitsforde-
rungs-, Beschiftigungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft“ (Z-ABS) des Sichsischen Ministeriums fiir
Wirtschaft und Arbeit geregelt. Projekttriger dieses Programms ist die Gesellschaft fiir Arbeitsforderung,
Beschiftigung und Strukturentwicklung mbH, Dresden.
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Nach dieser Zusammenstellung ergibt sich iiber den Zeitraum 1994 bis 2003 insgesamt
ein Fordervolumen von 937 Mill. DM, das in Zusammenhang mit der Ansiedlung des
Halbleiterwerks SIMEC iiber einen Zeitraum von 10 Jahren flieBen wird.

Tabelle 2.3-1
Staatliche Fordermittel fiir das Halbleiterwerk Dresden im Zeitraum 1994 bis 2003
(Stand 30. September 1996)

Rordermittel in Mill. DM
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |Summe

GA-Forderung| 100 | 124 | 124 0 0 0 0 0 0 0 348

Investitions- 0 0 28 32 30 30 0 0 0 0 120
zulage

Zinszuschuf} 0 90 90 90 90 90 0 0 0 0 450
Z-ABS 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0 20

Insgesamt 100 | 221 | 254 | 122 | 120 | 120 0 0 0 0 937
D Nicht berticksichtigt ist die im politischen Raum abgegebene Absichtserklirung des damaligen
BMFT, Verbundprojekte im Zusammenhang mit SIMEC mit bis zu 300 Mill. DM in einem Zeit-

raum von 10 Jahren zu férdern.
Quellen: Sichsisches Staatsministerium fiir Wirtschaft und Arbeit, SIMEC
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Die Entscheidung iiber die Standorte von neuen Investitionsvorhaben werden von Inve-
storen nach einem intensiven Auswahlprozef getroffen, in dem die Standortbedingungen
und -faktoren fiir eine Reihe von Standorten verglichen und bewertet werden. In einer
idealtypischen Betrachtungsweise flieflen in die Bewertung alle Faktoren ein, die die
Rentabilitit des Investitionsvorhabens iiber den gesamten Planungszeitraum beeinflussen.
In der Realitit wird es nicht moglich sein, den Beitrag aller Faktoren im Hinblick auf ihre
Wirkungen auf die Rentabilitit quantitativ abzuschitzen, so da8 auch qualitative Bewer-
tungen bei der Standortentscheidung eine Rolle spielen werden.

Es wurde versucht, durch Gespriche mit dem Investor, mit anderen Unternehmen aus
der Branche, mit an dem Standortentscheidungsprozef} beteiligten Personen und durch die
Auswertung von relevanten Informationen, eine Bewertung der Bedeutung von unter-
schiedlichen Standortfaktoren durchzufithren. Aus der Vielzahl der in den Entscheidungs-
prozef einflieBenden Faktoren haben sich vier Standortfaktoren herauskristallisiert, denen
eine besondere Bedeutung bei der Standortentscheidung von kapitalintensiven High-tech-
Investitionen wie dem Halbleiterwerk SIMEC zukommt.

Es wird unterschieden zwischen entscheidenden Faktoren bei der Standortwahl, die die
Standortentscheidung in erster Linie beeinflussen, und begiinstigende Faktoren bei der
Standortwahl, die nicht notwendig an einem Standort vorhanden sein miissen, deren Exi-
stenz sich aber als deutlich positiv fiir die Standortentscheidung erweist.

Als entscheidende Faktoren wurden identifiziert:
— die Hohe der staatlichen Fordermittel, die an einem Standort zur Verfiigung stehen
— das Potential an qualifizierten und qualifizierbaren Fachkriften in der Region

Als begiinstigende Standortfaktoren wurden dariiber hinaus identifiziert:
— das Vorhandensein einer technologiespezifischen Infrastruktur in der Region

— die hohe Akzeptanz des Vorhabens im politischen Raum (Bevolkerung, politische Ent-
scheidungstriger).

3.1. Entscheidende Standortfaktoren

In der Halbleiterherstellung sind multinationale Unternehmen aktiv, die ihre Investiti-
onsstrategien zunehmend an der Marktentwicklung in den Triaderegionen Europa, USA
und Asien orientieren (vgl. Kapitel 2.2). Der Wettbewerb der moglichen Standorte fiir
Front-end-Fabriken findet vorwiegend innerhalb dieser Triaderegionen statt. Im Ansied-
lungswettbewerb setzen die Staaten vor allem auf die Foérderung von Forschung und
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Entwicklung sowie von Investition und Produktion. Sowohl die Forderung der FuE als
auch die Investitionsforderung zielen auf die Senkung der Fixkosten der Halbleiterherstel-
ler.

Staatliche Forderung

Instrumente der Forschungsforderung sind vor allem steuerliche Vergiinstigungen, di-
rekte finanzielle Projektforderung und Unterstiitzung des Ausbaus der Forschungsinfra-
struktur. Die FuE der Unternehmen wird bisher vorrangig in den Lindern gefordert, die
iiber heimische Halbleiterhersteller verfiigen, die FuE-Aktivititen noch iiberwiegend am
Heimatstandort durchfiihren (USA, Japan, EG, Deutschland, Frankreich, Niederlande,
Taiwan, Korea). Der Anstieg der FuE-Aufwendungen fiir die Entwicklung einer neuen
Generation von DRAM um jeweils etwa 200 Mill. US-$ (4-MBit-DRAM-Technologie:
400 Mill. US-$; 16-Mbit-DRAM-Technologie: 600 Mill. US-$; 64-Mbit-DRAM Tech-
nologie: 800 Mill. US-$)*" macht deutlich, daB mit staatlichen Finanzhilfen fiir FuE-
Projekte aus der Sicht des Investors groBe Potentiale zur Senkung der Fixkosten von
Halbleiterfabriken verbunden sind.

Bei der Forderung von Investition und Produktion kann nach Kkapitalbezogenen
(Investitionszulagen, -zuschiisse, Sonderabschreibungen) und gewinnbezogenen MaBnah-
men (Steuerarten, Steuersitze, steuerfreie Riicklagen) unterschieden werden”. Diese For-
derungsmafinahmen werden vor allem in strukturschwachen Regionen eingesetzt, um neue
Produktionsstitten anzusiedeln. Die Investitionsforderung ist nicht sektorspezifisch, sie
wird aber vor allem von mobilen Industrien genutzt, in denen Produktionsstitten zuniichst
auch ohne eine bedeutende lokale FuE-Basis errichtet werden konnen. In den letzten Jah-
ren wurde innerhalb Europas durch die Investitionsforderung in strukturschwachen Re-
gionen die Ansiedlung von Front-end-Fabriken in Irland, Grofbritannien (Schottland,
Wales, Nordengland) und Deutschland (Dresden) ermoglicht.

Fiir das Halbleiterwerk SIMEC in Dresden wird nach Planungen des Investors in einem
Zeitraum von zehn Jahren ein Investitionsvolumen von 2,7 Mrd. DM aufgewandt. Bei ei-
ner geplanten Mitarbeiterzahl von 1 850 Personen bedeutet dies ein Investitionsvolumen
von 1,5 Mill. DM pro Arbeitsplatz. Dies ist ein im Vergleich zum Durchschnitt des ver-
arbeitenden Gewerbes weit iiberdurchschnittlicher Wert™.

Damit sind die Kapitalkosten eines Halbleiterwerks und die daraus resultierenden Ab-
schreibungen eine entscheidende GroBe fiir die Rentabilitit des Investitionsvorhabens.

' vgl. Hilpert u.a. (1994).

2 ygl. Hilpert u.a. (1994).

» Im verarbeitenden Gewerbe Westdeutschlands lag die durchschnittliche Kapitalintensitit (Brutto-
anlagevermdgen je Beschiftigten) im Jahre 1994 bei 200 TDM. Selbst wenn man beriicksichtigt, daff die
Kapitalintensitit bei Neuinvestitionen auf der ,griinen Wiese“ deutlich hoher ist (nach Schitzungen des

Ifo-Instituts etwa doppelt so hoch), ist die Kapitalintensitit im Halbleiterwerk dennoch weit tiberdurch-
schnittlich.
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Diese Hypothese wird gestiitzt, wenn man in idealtypischer Weise die Kostenstruktur
beim Betrieb eines Halbleiterwerks betrachtet.

Eine Grobschitzung fiihrt zu dem Ergebnis, daB in einem Halbleiterwerk zur Massen-
produktion die Lohn- und Gehaltskosten etwa 5 % bis 10 % des Umsatzes und die einge-
setzten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etwa 10 % des Umsatzes ausmachen. 80 % bis
85 % der Kosten entfallen also auf die Komponenten

Abschreibung auf Equipment,
Abschreibung auf Gebiude,
Aufwendungen fiir Forschung und Entwicklung,

— Gewinn.

Diese Kostenstruktur betont das Gewicht, das die Abschreibungen auf eingesetztes
Kapital fiir die gesamte Kostenstruktur beim Betrieb eines Halbleiterwerks haben. Dies
bedeutet keineswegs, daB die von ihrem Gewicht weniger bedeutenden Kostenfaktoren
keinen EinfluB auf die Gewinnsituation, die sich ja als Saldo aus Ertrigen und Kosten
ergibt, haben und somit die Rentabilitit des Investitionsvorhabens nicht beeinflussen™. Es
bleibt als Ergebnis, daB bei der kapital- und forschungsintensiven Halbleiterfertigung die
Kostenkomponenten, die im Zusammenhang mit den Kapitalkosten stehen, ein besonders
hohes Gewicht haben.

Geht man davon aus, daB sich die Kosten von Fremdkapital wegen der zunehmenden
Integration der Finanzmirkte international kaum noch unterscheiden®, wird deutlich, daB
insbesondere die finanziellen Forderbedingungen an einem Standort, die die Kapitalkosten
beeinflussen, von entscheidender Bedeutung fiir die Rentabilitit des Investitionsvorhabens
sind.

Der Umfang der finanziellen Férderung am Standort beeinfluft die Kapitalkosten in er-
heblichem Umfang. In der Region Dresden stand wegen der Strukturschwiche® der Wirt-
schaft in den neuen Lindern zum Zeitpunkt der Standortentscheidung eine Forderkulisse
zur Verfiigung, die die Kapitalkosten fiir das Halbleiterwerk in erheblichem Umfang be-
einfluBt”’. Die gewihrten Fordermittel haben bei Investitionskosten von 1,5 Mill. DM

% S0 betont eine Studie der European Electronic Component Manufacturers Association aus dem Jahre
1992, die in einer Modellrechnung die Produktionskosten der Halbleiterfertigung in Europa, USA, Japan
und Stidostasien vergleicht, die Bedeutung von Lohnkostenunterschieden zwischen diesen Regionen. Die
Unterschiede ergeben sich sich im wesentlichen aus Unterschieden in der Jahresarbeitszeit und bei den
Lohnnebenkosten. Allerdings werden - soweit erkenntlich - keine Unterschiede in den Arbeitsproduktivi-
titen zwischen den Regionen beriicksichtigt. Nach diesen Modellrechnungen machen die Unterschiede
bei den so definierten Lohnkosten 50% der Kostenunterschiede insgesamt aus.

» Dies gilt zumindest dann, wenn der Investor ein multinationales Unternehmen mit Zugang zum
weltweiten Kapitalmarkt ist.

% Die Strukturschwiiche zeigt sich unter anderem in einem geringen Industrieanteil, einer kaum vor-
handenen Grofproduktion, einer geringen Exportquote und im geringen Gewicht von High-tech-
Branchen.

2 Vgl. hierzu ausfiihrlicher Kapitel 2.3.
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pro Arbeitsplatz ein Volumen von 0,5 Mill. DM und entsprechen somit einem Drittel der
Investitionskosten.

Humankapital

Ein notwendiger Standortfaktor firr die Ansiedlung von Halbleiterfabriken ist die Ver-
fiigbarkeit einer ausreichenden Zahl von Arbeitskriften verschiedener Qualifikationsstu-
fen.

Im ProduktionsprozeB einer Halbleiterfabrik werden Mitarbeiter eingesetzt, die zum
grofien Teil tiber eine Facharbeiterausbildung verfiigen. Der ProduktionsprozeB verlangt
ein Arbeitszeitregime mit rollierenden Schichten im 24-Stunden-Betrieb und stellt hohe
Anforderungen an die Zuverlissigkeit der Mitarbeiter. Aufgrund der Deindustrialisie-
rung, die in Ostdeutschland nach der Vereinigung Deutschlands stattfand, gab es dort
zum Zeitpunkt der Ansiedlungsentscheidung von SIMEC 1994 bei einer Arbeitslosenquo-
te von 10,7 % in der Stadt Dresden ein relativ groes Potential an jungen qualifizierbaren
Arbeitskriften, die iiber eine Facharbeiterausbildung in anderen Berufen verfiigten.

Forschungszentrum fiir Mikroelektronik in der DDR

Die Region Dresden hat den Standortvorteil, daB sie iiber das grofite Zentrum fiir FuE
in der Mikroelektronik der DDR verfiigte und ein wichtiger Produktionsstandort fiir
Halbleiter und fiir Ausriistungen war. Dadurch besteht in der Region ein grofies Potential
erfahrener und qualifizierter Arbeitskrifte fir Halbleiterherstellung, Equipmentservice
sowie Forschung und Entwicklung im Bereich der Prozeftechnologie. Das wichtigste In-
dustrieforschungsinstitut im Halbleiterbereich in Dresden war das Forschungszentrum
Mikroelektronik Dresden, in dem im Jahr 1989 3 100 Mitarbeiter beschiftigt waren,
darunter 1 600 Personen im FuE-Bereich. Das Forschungszentrum verfiigte in seiner Pi-
lotlinie zur Halbleiterfertigung tiber die modernsten Gerite in der DDR. Die Massenferti-
gung wurde in Betrieben in Frankfurt/Oder und Erfurt durchgefiihrt. Im Jahr 1989 ver-
teilte sich die Beschiftigung im Bereich der Mikroelektronik an den wichtigsten Standor-
ten in der DDR wie folgt: Erfurt: 8 300 Beschiftigte, Frankfurt/Oder: 8 100 Beschif-
tigte, Dresden: 3 500 Beschiiftigte. In den Betrieben Elektromat Dresden und Hochvaku-
um Dresden wurden Ausriistungen fir die Halbleiterfertigung hergestellt™. Das For-
schungszentrum Mikroelektronik Dresden war an der Entwicklung des 1-MBit-Speichers,
der im Herbst 1988 vorgestellt wurde, maBgeblich beteiligt. Trotz dieses Entwicklungs-
ergebnisses, das unter den Bedingungen des durch die ,,Cocom-Liste“ beschrinkten Au-
Benhandels mit Hochtechnologiegiitern erreicht wurde, hatte die Mikroelektronik in der
DDR 1989 einen technologischen Riickstand im internationalen Vergleich von 5 bis
8 Jahren®.

3 Vgl. Hiibner u.a. (1990).
* vgl. Marschall u.a. (1991).
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Zentrum Mikroelektronik Dresden GmbH (ZMD)

Zum Zeitpunkt der Standortentscheidung von Siemens fiir Dresden bestand dort das
Unternechmen Zentrum Mikroelektronik Dresden GmbH (ZMD), das am 1.11.1993 aus
dem Kernbereich des Forschungszentrums fiir Mikroelektronik in Dresden gegriindet
worden war und noch 560 Mitarbeiter hatte. Das ZMD befindet sich in Landeseigentum
und erhielt eine Anschubfinanzierung in Hohe von 125 Mill. DM durch die Treuhandan-
stalt. Im Jahr 1996 waren noch 490 Mitarbeiter beschiftigt, darunter etwa 300 in der
Produktion und 50 bis 60 im Bereich FuE.

Die Produktpalette umfaBt:
- ASIC
— spezielle Speicher (u.a. nichtfliichtige Speicher)

— Silicon-foundry-Aktivititen fiir grofe Halbleiterproduzenten und Unternehmen ohne
eigene Fertigungskapazititen (,,fabless companies*)

Siemens hat den Aufbau von ZMD mit Know-how unterstiitzt, ohne sich an dem Un-
ternechmen zu beteiligen. Einige Mitarbeiter von Siemens haben das Management im Un-
ternehmen mitaufgebaut. AuBerdem ist Siemens neben Philips und Temic einer der grof-
ten Kunden von ZMD.

Der Umsatz stieg von etwa 4 Mill. DM im Jahr 1993 auf 71 Mill. DM im Jahr 1995.
Fiir 1996 werden 72 Mill. DM Umsatz erwartet und fiir 1997 sind 85 Mill. DM geplant.
Ab Ende 1996 will ZMD ,schwarze Zahlen schreiben“. Die Umsatzentwicklung verlief
deutlich niedriger als geplant. Griinde dafiir waren die unerwartet schwache Nachfrage,
vor allem aber auch die fehlende Nachfrage der lokalen ostdeutschen Industrie. So befin-
den sich die wichtigsten Kunden von ZMD in Westdeutschland und im Ausland. 1996 hat
ZMD ein Vertriebsbiiro in Santa Clara/Kalifornien eroftnet.

ZMD hat durch die Ansiedlung von SIMEC qualifizierte Mitarbeiter verloren, ist aber
zuversichtlich, einen Stamm von Fachleuten im Unternehmen halten zu kénnen. Durch
den Ausbau der halbleiterspezifischen Infrastruktur infolge der Ansiedlung von SIMEC
hat sich aber auch fiir ZMD das Umfeld verbessert. Das Unternehmen bereitet zur Zeit
seine Privatisierung vor.

Viele ehemalige Mitarbeiter des Forschungszentrums fiir Mikroelektronik und der Aus-
ristungshersteller Hochvakuum und Elektromat, aber auch des Unternechmens ZMD sind
zu SIMEC, an das neu gegriindete Fh-Institut fiir Mikroelektronische Schaltungen und
Systeme sowie zu den lokalen Niederlassungen von Ausriistungsunternehmen und Inge-
nieurbiiros gewechselt. Die neu angesiedelten Unternehmen haben von dem in der Region
Dresden vorhandenen spezifischen Humankapital profitiert. Die Tatsache, daf die Aus-
beute im SIMEC-Werk wesentlich schneller als geplant gesteigert werden konnte, geht
auch auf die engagierte und qualifizierte Mitarbeit der Arbeitskrifte aus der Region bei
SIMEC und in den Unternehmen im Infrastrukturbereich zuriick.
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3.2. Begiinstigende Standortfaktoren

Neben den notwendigen gibt es begiinstigende Standortfaktoren fiir die Ansiedlung von
Front-end-Fabriken. Sie sind nicht an allen potentiellen Halbleiterfertigungsstandorten
gegeben, spielen aber bei der Anwerbung von Investitionsvorhaben auch eine wichtige
Rolle und unterstiitzen die Entfaltung der positiven Wirkungen auf die Region und die
Volkswirtschaft. Aus Gesprichen mit Experten (Vertretern von Halbleiterherstellern,
Equipmentproduzenten, Forschungseinrichtungen) sowie in den Fallstudien zu den drei
niher untersuchten Halbleiterstandorten haben sich zwei Standortfaktoren herausgehoben,
die die Auswahl begiinstigen:

— das Vorhandensein einer technologiespezifischen Infrastruktur (Niederlassungen von
Equipmentlieferanten, Bildungs- und Forschungseinrichtungen) und

— die hohe Akzeptanz des Vorhabens bei den Einwohnern, ihren politischen Reprisen-
tanten und den 6ffentlichen Verwaltungen in der Region.

3.2.1. Halbleiterspezifische Infrastruktur

Equipment und Zulieferer

An der Errichtung und dem Betrieb einer Halbleiterfabrik sind sowohl weltweit agie-
rende, technologisch auf die Halbleiterproduktion spezialisierte Unternehmen (Equip-
ment-hersteller, Produzenten der Siliziumwafer) und Unternehmen, die nur teilweise
spezifische Vorleistungen in den Bereichen Bau, Ingenieur- und Dienstleistungen erbrin-
gen, sowie Unternehmen mit unspezifischen Vorleistungen (Werkschutz, Kantine, Biiro-
material) beteiligt. Zwischen dem technologischen Niveau und der Halbleiterspezifik der
von diesen Unternehmen gelieferten Giiter und Dienstleistungen besteht ein enger Zu-
sammenhang. Allerdings ist das technologische Niveau auch im Low-tech-Bereich der
Zulieferungen hoher als in traditionellen Industrien. Beispielsweise werden an die Reini-
gung der Reinrdume in Halbleiterfabriken hohere Anforderungen gestellt als an die Reini-
gung von anderen Fabrikgebiuden.

Die Zusammenarbeit zwischen den Equipmentherstellern und dem Halbleiterproduzen-
ten ist oft sehr eng und dauert iiber die gesamte Lebenszeit einer Fabrik an. Die Koopera-
tion schlieit in vielen Fillen auch die gemeinsame Entwicklung und Erprobung von neu-
en Ausristungen ein. Zum groBen Teil wird das Equipment an den konkreten Produkti-
onsprozefl beim Hersteller angepafit. Niederlassungen der Equipmentunternehmen und
von Ingenieurunternechmen, die fiir Ausriistungshersteller Vertriebs-, Service- und War-
tungsaufgaben ibernehmen, siedeln sich deshalb in rdumlicher Nihe zur Produktion an.
Die Kompetenz dieser lokalen Unternehmenseinheiten steigt, wenn auch hoherwertige
Unternehmenstfunktionen wie Produktion sowie FuE in diesen Niederlassungen durchge-
fithrt werden. Der Betrieb von Halbleiterfabriken ist von einem stindigen Austausch von
Fertigungsgeridten und ihren Komponenten (Ersatzinvestitionen) gekennzeichnet. Eine



3.2. Begiinstigende Standortfaktoren 33
Abbildung 3.2-1
|
‘ Technologieniveau und Halbleiterspezifik der Ausruster und
; Zulieferer von Halbleiterfabriken
‘ Technologie-
niveau
>
; Equipment
|High-tech
|
Equipment-Service
Equipment-Handel
Wafer
Gase
Chemikalien
Ingenieur- und
Planungsleistungen
Logistik
'Medium-tech - Einbringung
‘ - Beschaffung
- Verkauf
Bauleistungen
Bauhandwark
ArbasKieldy
1 rbeitskleldung
Low-tech Woerkschutz
Kantine .
Halbleiter-
spezifik
» der Gater
. und Dienst-
unspezifisch spezifisch lsistungen
|
1{ DIW 96

3 Belitz u. a.



34 3. Faktoren bei der Standortwahl fiir das Halbleiterwerk Dresden

Halbleiterfabrik benotigt dariiber hinaus eine Ver- und Entsorgungsinfrastruktur fiir spe-
zielle Materialien, Gase und Chemikalien. Die Kosten der Errichtung und insbesondere
des Betriebs von Halbleiterfabriken sind nach Aussagen der Halbleiterhersteller in den
Regionen bedeutend niedriger, in denen die Zulieferer bereits niedergelassen sind.

In Dresden war diese spezifische Infrastruktur zum Zeitpunkt der Ansiedlungsentschei-
dung von Siemens nur teilweise vorhanden. Durch die Tradition Dresdens als ein Zen-
trum der Produktion und Forschung in der Mikroelektronik und der Produktion von
Halbleiterausriistungen in der DDR gab es aber erfahrenes und qualifiziertes Personal in
diesen Bereichen (siehe Abschnitt 3.1 Humankapital). In Dresden war ein bedeutender
Ausriistungsproduzent der DDR, das Unternehmen Elektromat, angesiedelt. Der Halblei-
terhersteller ZMD in Dresden war bereits Kunde von Equipmentunternehmen und Zulie-
ferern.

Beginnende Entwicklung der Infrastruktur

Im Zuge des Aufbaus des Halbleiterwerks SIMEC haben fithrende auslindische Ausrii-
stungshersteller wie Applied Materials, SVG Silicon Valley Group, Tokyo Electron, Ca-
non, Edwards und Tylan General in Dresden Niederlassungen eingerichtet. Vorrangige
Aufgaben dieser Niederlassungen sind die Installation der Gerite, Service und Wartung,
zum Teil sind damit aber auch in Entwicklungsaufgaben verbunden. Diese Unternehmen
haben in Dresden einige Experten von anderen Standorten in Deutschland und im Ausland
eingesetzt. In groferem Umfang wurden vorwiegend junge Universitits- und Hochschul-
absolventen mit durchschnittlich etwa zweijihriger Industrieerfahrung eingestellt und an
etablierten Unternehmensstandorten in aller Welt iiber einen lingeren Zeitraum ausgebil-
det. Der groBte Teil dieser jungen Mitarbeiter kommt aus dem Land Sachsen, einige ha-
ben nach der Vereinigung in Westdeutschland gearbeitet und sind anlidfilich des Investi-
tonsvorhabens SIMEC und des damit verbundenen Aufbaus der Infrastruktur in ihre Hei-
matregion zuriickgekehrt™.

Am Investitionsvorhaben sind nur wenige deutsche Ausriistungsunternehmen beteiligt,
darunter Steag Microtech, Leybold als Lieferant von Komponenten der Vakuumtechno-
logie und das junge Technologieunternehmen DAS Diinnschicht Anlagen Systeme aus
Dresden. DAS wurde auf der Basis einer grundlegenden Innovation im Bereich der Diinn-
schichttechnik gegriindet, fiir die der Halbleiterbereich ein wichtiges Anwendungsfeld ist.
Das Unternehmen wichst schnell und ist dabei, auf dem Weltmarkt FuBl zu fassen. DAS
war bereits Zulieferer von Siemens an anderen Halbleiterstandorten, das Projekt SIMEC
in Dresden war jedoch der entscheidende Durchbruch fiir das Unternehmen in diesem
Markt.

Einige mittelstindische Unternehmen mit Hauptsitz in Westdeutschland, meist in Bay-
ern und Baden-Wiirttemberg, vertreten internationale Equipmenthersteller in Deutschland

* Nach Auskunft der Equipmentfirmen haben sich bei Ausschreibungen auf eine Stelle bis zu
20 Kandidaten beworben.
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in den Bereichen Vertrieb, Service und Wartung (u.a. Teltec semiconductor, htt high tech
trade, Metron Technology).

Deutsche Unternehmen sind in grofem Umfang im Bereich der spezifischen Ingenieur-
und Bauleistungen in das Investitionsvorhaben eingebunden (u.a. Meissner+ Wurst,
Schmidt Reuter Partner, Reinhold Fith, Metallbau Georg Hagl, ROM).

Logistik-Dienstleistungen (Beschaffungs-, Distributions- und Lagerlogistik) werden u.a.
vom Speditionsunternehmen Schenker International, einer Tochtergesellschaft des VEBA-
Konzerns durchgefiihrt.

Mit der Ver- und Entsorgung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ( Siliziumwafern,
Chemikalien und Gasen) sind Tochtergesellschaften international titiger Konzerne beauf-
tragt (u.a. Sumimoto Sitics, Wacker Siltronics, MEMC sowie Messer Griesheim und Air
Liquide mit On-site-Anlagen). In der Nihe von Dresden hat Wacker die Reinst-Silizium-
Aktivititen des Unternechmens Freiberger Elektronikwerkstoffe iibernommen. Das dort
hergestellte Silizium kann jedoch bisher aufgrund hoherer Qualititsanforderungen von
SIMEC nicht verwendet werden. Im Zuge des Ausbaus der Freiberger Produktion des
Unternehmens Wacker ist denkbar, da in Zukunft Lieferbeziehungen zu SIMEC entste-
hen.

Bildungs- und Forschungseinrichtungen

Neben den Zulieferern von Giitern und Dienstleistungen gehoren auch die Bildungs-
und Forschungseinrichtungen in der Region zur halbleiterspezifischen Infrastruktur. Sie
tragen zum einen zur Aus- und Weiterbildung der Arbeitskrifte der Halbleiterhersteller
und ihrer Zulieferer wesentlich bei und kénnen zum anderen mit Forschungs- und Ent-
wicklungsleistungen die Wettbewerbsfihigkeit dieser Unternehmen fordern. Die Universi-
titen in Dresden und Chemnitz-Zwickau hatten bereits in der DDR enge Verbindungen
zur Mikroelektronikindustrie.

TU Dresden

Die TU Dresden hat eine lange Tradition des Studiums der Elektrotechnik. Seit 1952
existiert dort eine eigenstindige Fakultit Elektrotechnik. 1995 hatte die Fakultit
41 Hochschullehrer, 114 wissenschaftliche und 97 technische Mitarbeiter. Aus Drittmit-
teln wurden weitere 129 Mitarbeiter finanziert. 64 Stipendiaten waren in der postgradua-
len Qualifizierung. An der Fakultit Elektrotechnik sind etwa 1400 Studenten einge-
schrieben. Am Institut fiir Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (IHM) der Fakultit wird
der Studiengang Mikroelektronik angeboten, in dem pro Studienjahrgang etwa 8 bis
16 Studenten ausgebildet werden. In die Ausbildung im Studiengang Mikroelektronik ist
auch das Institut fiir Festkorperelektronik der TU Dresden einbezogen.

Das Ziel der Studienrichtung Mikroelektronik besteht in der Ausbildung von Elektroin-
genieuren, die neben Grundkenntnissen auf den Gebieten des Entwurfs, der Herstellung
und Verarbeitung sowie der Anwendung moderner elektronischer Bauelemente und inte-
grierter Schaltungen, optoelektronischer und mikromechanischer Komponenten vor allem

3*
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die praktische Umsetzung durch effiziente Verfahrenstechnologien und stabile Ferti-
gungsprozesse beherrschen.

Das Institut fiir Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (IHM) wurde im Jahr 1990 ge-
griindet. Seinen historischen Ursprung hat das Institut im Wissenschaftsbereich Elektro-
nik-Technologie, der 1973 formiert wurde und der fiir die Ausbildung der Studenten in
der Studienrichtung Elektronik-Technologie zustindig war. Das Institut besteht aus drei
Lehrstiihlen: Halbleitertechnik, Mikrosystemtechnik sowie Aufbau- und Verbindungs-
technik. Es verfiigt iiber ein Laborgebdude mit Reinrdumen, das 1984 fertiggestellt wur-
de. Das IHM hatte zu Beginn des Jahres 1996 21 feste Mitarbeiter und 59 Mitarbeiter, die
iiber Drittmittel von Forschungsfordereinrichtungen und von der Industrie finanziert wur-
den. Das IHM ist am Forschungsprojekt ,,INNOMONT" zur Weiterentwicklung der IC-
Montage“ beteiligt. Dieses vom BMBF geforderte Projekt fiihrt SIMEC Dresden gemein-
sam mit Siemens Regensburg und anderen Partnern im Zeitraum von September 1995 bis
Juni 1998 durch.

TU Chemnitz-Zwickau

Das Zentrum fiir Mikrotechnologien der Fakultit fiir Elektrotechnik und Information-
stechnik der Technischen Universitit Chemnitz-Zwickau fiihrt Lehre und Forschung in
den Gebieten der Mikroelektronik, Mikromechanik und Mikrosystemtechnik durch. Es
wurde 1978 als Technikum fiir Mikroelektronik von der damaligen Technischen Hoch-
schule und dem Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden gegriindet. In dem bis
Mitte 1996 modernisierten Zentrum fiir Mikroelektronik sind sowohl die geritetechnische
Ausstattung als auch Erfahrungen des Lehrpersonals der TU Chemnitz-Zwickau auf den
Gebieten der ProzeBtechnologien und des Entwurfs fiir hochstintegrierte mikroelektroni-
sche Schaltungen vorhanden. Im Rahmen von Projekten, die durch das BMBF und den
Freistaat Sachsen gefordert werden, und im Auftrag der Industrie werden Themen aus
dem Bereich der Mikroelektronik-Technologie und der Mikrosystemtechnik bearbeitet.
Mit der Industrie werden zum Beispiel Metallisierungssysteme fiir hochstintegrierte
Schaltkreise entwickelt.

An der TU Chemnitz-Zwickau wurde ein Sonderforschungsbereich ,,Mikromechanische
Sensor- und Aktorarrays“ eingerichtet, der sich schwerpunktmiBig mit der Siliziummi-
kromechanik und deren Kopplung mit der Mikroelektronik befait. Die Teilprojekte wer-
den in interdisziplinirer Zusammenarbeit von Professuren der Fakultiten fiir Elektro-
technik und Informationstechnik sowie Naturwissenschaften mit dem Fraunhofer-Institut
fiir Zuverlissigkeit und Mikrointegration bearbeitet. Das Zentrum fiir Mikrotechnologien
ist dabei die zentrale priparative Basis.

Mit dem Wintersemester 1996 wurde das Aufbaustudium ,,Mikroelektronik“ an der TU
Chemnitz-Zwickau eingefiihrt, um Absolventen verwandter Fachrichtungen eine Chance
zu geben, in der sich entwickelnden Mikroelektronikindustrie vor allem in Sachsen einen
Arbeitsplatz zu finden. Im Rahmen dieses Aufbaustudiums sollen zu folgenden Themen
Kenntnisse und Fahigkeiten vermittelt werden:
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— Grundprinzipien und Wirkungsweise elektronischer Bauelemente in Festkorperschalt-
kreisen,

— Entwurf integrierter Schaltkreise,
— Prozesse, Verfahren, Equipment und Technologie hochstintegrierter Schaltkreise und

— Modellierung von Einzelverfahren und ProzeBabliufen in der Silizium-Halbleiter-
technik.

Ubersicht 3.2-1

Planstellen an auBeruniversitiren naturwissenschaftlich-technischen
FuE-Einrichtungen in Dresden im Jahr 1996

Blaue-Liste-Einrichtungen

Institut fiir Polymerforschung: 166
Institut fiir Festkorper- und Werkstofforschung: 235
Forschungszentrum Rossendorf: 435

FhG-Einrichtungen

Institut fiir Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS 2): 130
Fh-Einrichtung fiir Automatisierung des Schaltkreis- und Systementwurfs
(EAS): 40

Fh-Einrichtung fiir ProzeBsteuerung, Dresden (EPS): 30

Institut fiir Werkstoffphysik und Schichttechnologie (IWS): 65

Institut fiir Elektronenstrahl- und Plasmatechnik (FEP): 87

Institut fiir Keramische Technologien und Sinterwerkstoffe (IKTS): 80
Fh-Einrichtung fiir Akustische Diagnose und Qualitdtssicherung (EADQ): 34
Fh-Einrichtung fiir Pulvermetallurgie und Verbundwerkstoffe (EPW): 20

Max-Planck-Gesellschaft

Institut fir Physik komplexer Systeme: 37

Arbeitsgruppe ,Mechanik heterogener Festkorper” an der TU Dresden: 12
Arbeitsgruppe ,, Theorie komplexer und korrelierter Elektronensysteme*
an der TU Dresden: 7

Landeseinrichtungen

Verein fir Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V.: 121

Quellen: Forschung in Sachsen. Staatministerium fiir Wissenschaft und Kunst, Dresden 1996.

Das Aufbaustudium Mikroelektronik hat zum Ziel, befihigte Absolventen mit universi-
tirem DiplomabschluB auf natur- oder ingenieurwissenschaftlichem Gebiet bzw. Absol-
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venten einer Fachhochschule mit Diplomabschluff auf technischem Gebiet mit diesen wis-
senschaftlichen Grundlagen der Mikroelektronik vertraut zu machen und im Rahmen eines
2- bis 4-semestrigen Studiums zu qualifizieren. Dabei werden die Unterschiede in der
Vorbildung in der Studienplangestaltung beriicksichtigt.

Die Bedeutung der TU Dresden und der TU Chemnitz-Zwickau fiir die Ansiedlungsent-
scheidungen von Siemens und AMD kommt auch darin zum Ausdruck, daB Universitits-
professoren frithzeitig in die Gespriche bei der Standortwahl einbezogen waren. Zwischen
den Universititen und den Halbleiterherstellern und einigen Equipmentproduzenten gibt
es Zusammenarbeit in Form von Studentenpraktika und ersten gemeinsamen Forschungs-
projekten.

Neben den TU Dresden und Chemnitz-Zwickau bilden auch Fachhochschulen im Land
Sachsen Elektrotechniker aus: die Hochschule fiir Technik und Wirtschaft in Dresden, die
Hochschule fiir Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, die Hochschule fiir Technik und
Wirtschaft Mittweida, die Hochschule fiir Technik, Wirtschaft und Sozialwesen Zit-
tau/Gorlitz und die Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Zwickau.

Das aufleruniversitire Forschungspotential im naturwissenschaftlich-technischen Be-
reich des Freistaates Sachsen konzentriert sich auf die Stadt Dresden. Im Bereich der
Halbleiterherstellung arbeitet in Dresden das Fh-Institut fiir Mikroelektronische Schaltun-
gen und Systeme (IMS 2) mit 130 Mitarbeitern. SIMEC hat zu diesem Institut wie zum
Institut fiir Polymerforschung und zum Forschungszentrum Rossendorf Forschungskon-
takte.

In der Region Dresden entsteht auf der Grundlage der Traditionen in Produktion und
Forschung im Bereich der Halbleiterherstellung - verstirkt von den Investitionsvorhaben
der Unternechmen Siemens und AMD - eine halbleiterspezifische Infrastruktur, die die
Kosten fiir weitere Investoren wesentlich verringert.

3.2.2. Akzeptanz des Vorhabens

Gerade bei kapitalintensiven High-tech-Fertigungsprozessen, bei denen es auf die
schnelle und effiziente Umsetzung von Forschungsergebnissen ankommt und dazu eine
spezifische Infrastruktur erst geschaffen werden muB, spielt ein gegeniiber der Investition
positiv eingestelltes politisches Umfeld eine bedeutende Rolle. Die Akzeptanz des Vorha-
bens bei der Bevolkerung und seine Férderung durch die politischen Reprisentanten kon-
nen die Kosten der Errichtung und des Betriebs eines solchen Werkes senken. Kurze Ge-
nehmigungsverfahren und die kurzfristige Anpassung der lokalen Infrastruktur ermog-
lichen eine schnelle Umsetzung des Investitionsvorhabens. Siemens hat deshalb von An-
fang an in der Offentlichkeitsarbeit umfangreich iiber das geplante Werk informiert
(Pressekonferenzen, Richtfest, Tage der offenen Tiir).

Die Planungen des Projekts begannen im Januar 1994. Auf regionaler Ebene wurde ein
Projektteam mit Mitgliedern aus der Landesregierung des Freistaates Sachsen, aus dem
Regierungsprisidium Dresden und aus Amtern der Stadtverwaltung Dresden gegriindet,
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um gemeinsam mit dem Investor die Planungs- und Entscheidungsprozesse zu begleiten.
Nach einer Analyse von 14 alternativen Standortvorschligen wurde fiir das Werk ein Ge-
linde an der Konigsbriicker Landstrae im Norden von Dresden ausgewihlt, das als ehe-
maliges Kasernengelinde der GUS-Streitkrifte zum damaligen Zeitpunkt als Landschafts-
schutzgebiet ausgewiesen war. Am 19. Mai 1994 wurde das Vorhaben durch die Stadt-
verordnetenversammlung Dresden genehmigt. Damit konnte die Planungs- und Genehmi-
gungsphase auf weniger als 5 Monate begrenzt werden. Sie war nach Angaben von Sie-
mens im internationalen Vergleich kiirzer als bei dhnlichen Projekten. Der Beginn der
Massenfertigung konnte im Verlauf des Jahres 1996 schneller erreicht werden, als ur-
spriinglich bei der Projektplanung vorgesehen war. Dies wird sowohl auf die erfolgreiche
unternehmensinterne Arbeit als auch auf die gute Zusammenarbeit mit dem regionalen
politischen Umfeld zuriickgefiihrt.

In der jiingeren Literatur zur Entstehung von High-tech-Regionen wird neben der ex-
pliziten Technologiepolitik auch den Aktivititen von Schliisselpersonen aus der Politik
eine groBe Bedeutung zuerkannt’'. Dies wurde auch in der Halbleiterregion Austin besti-
tigt. Dort war der Erfolg im Ansiedlungswettbewerb um die Forschungskonsortien MCC
und SEMATECH wesentlich dem Engagement des Gouverneurs von Texas in Zusam-
menarbeit mit Vertretern der Universitit und der Wirtschaft geschuldetn. Auch in Dres-
den war der groie personliche Einsatz einiger Schliisselpersonen aus Politik und Verwal-
tung ein Standortfaktor, der die Ansiedlungsentscheidungen von Siemens und AMD be-
giinstigt hat.

'vgl. Sternberg (1995a).
%2 Siehe auch Kapitel 5.3.
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4. Regionale und volkswirtschaftliche Wirkungen

In diesem Kapitel wird dargestellt, welche volkswirtschaftlichen und regionalen Wir-
kungen sich aus der Standortentscheidung fiir das Halbleiterwerk SIMEC ergeben. Aus-
gangspunkt ist zunichst eine detaillierte Untersuchung, welche Impulse fiir die Volkswirt-
schaft und die Region Dresden mit der Ansiedlungsentscheidung verbunden sind. Es ist
sinnvoll, zwischen der Bau- und Errichtungsphase, in der sich tempordre Impulse erge-
ben, und der Betriebsphase, von der dauerhafte Impulse ausgehen, zu unterscheiden. Aus
den quantifizierbaren Impulsen ergeben sich dann auf der gesamtwirtschaftlichen und re-
gionalen Ebene dkonomische Folgeeffekte. Diese Folgeeffekte werden in einer modellge-
stiitzten quantitativen Analyse untersucht”. Der Schwerpunkt liegt in der quantitativen
Untersuchung der Beschiftigungs- und Produktionswirkungen des Halbleiterwerks, die
sich auf gesamtwirtschaftlicher und regionaler Ebene ergeben. In einer mit dieser Analyse
inhaltlich verkniipften Modellrechnung werden die finanziellen Wirkungen abgeschiitzt,
die sich aus der mit staatlichen Mitteln geforderten Standortentscheidung fiir die fiskali-
sche Position des Staates ergeben.

Neben den quantitativ abschitzbaren Effekten sind auch Wirkungen auf die wirtschaftli-
che und technologische Leistungsfihigkeit in der Region Dresden und in Deutschland zu
erwarten, die nur qualitativ beschreibbar sind. Niher untersucht werden qualitative Wir-
kungen auf die technologische Leistungsfihigkeit der Bundesrepublik Deutschland und
die externen Effekte in der Region, die sich durch Wissensiibertragung in dem in der Re-
gion entstehenden Netzwerk von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und staatlichen
Verwaltungen ergeben.

Definition des Wirkungsfalls und des Referenzfalls

Die Abschitzung der volkswirtschaftlichen Wirkungen der Standortentscheidung fiir das
Halbleiterwerk SIMEC erfolgt im Rahmen einer Wirkungsanalyse, in der die beobachtba-
ren Effekte, die im untersuchten Wirkungsfall eintreten, im Vergleich zu einer definierten
Referenzsituation gemessen werden.

Der Wirkungsfall ist definiert durch eine Situation der Volkswirtschaft, die sich entwik-
kelt, nachdem die Standortentscheidung fiir eine Ansiedlung des Halbleiterwerks SIMEC
in Deutschland (genauer: in Dresden) getroffen wurde. Die Referenzsituation (status-quo)
ist dadurch gekennzeichnet, daB eine Standortentscheidung zuungunsten einer Ansiedlung
dieses Werkes in Deutschland getroffen wurde. Die Effekte der Ansiedlung ergeben sich
dann durch einen Vergleich der okonomischen Entwicklung im Wirkungsfall mit der
okonomischen Entwicklung im Referenzfall.

* Vgl. zu den eingesetzten Modellen Edler (1990) und Blazejczak, Bdler und Gornig (1993).
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Die im Wirkungsfall aufgewendeten Fordermittel des Staates werden im Referenzfall
nicht anders verausgabt, d.h. sie werden gedanklich zum Abbau der Finanzierungsdefizite
verwendet. Die aus einem Abbau der Finanzierungsdefizite (in Hohe der Fordermittel)
moglicherweise resultierenden volkswirtschaftlichen Effekte bleiben unberiicksichtigt™.

4.1. Quantitative Impulse des Investitionsvorhabens

Die modeligestiitzte quantitative Analyse der gesamtwirtschaftlichen und regionalen
Folgewirkungen der Errichtung und des Betriebs des Halbleiterwerks erfordern eine sorg-
filtige und detaillierte Erhebung der von dieser Unternehmensansiedlung ausgehenden
primdren Impulse. Als primire Impulse werden die unmittelbar mit der Unternechmensan-
siedlung verbundenen Ausgaben bzw. Aufwendungen bezeichnet, die wiederum Folgeef-
fekte in der Volkswirtschaft insgesamt bzw. im regionalen Umfeld auslosen.

Im Vordergrund der quantitativen modellgestiitzten Analyse stehen die von dieser In-
vestition ausgehenden unmittelbaren Impulse fir Produktion und Beschiftigung in
Deutschland sowie in der Wirtschaftsregion Dresden. Methodisch lassen sich zwei Phasen
der Projektrealisation unterscheiden, von denen jeweils unterschiedliche Impulse aus-
gehen.

1. Bau- bzw. Errichtungsphase

Wihrend der Bauphase des Chipwerks entsteht temporir ein primirer Nachfrageimpuls
in Hohe der Investitionssumme™. Die Errichtung einer neuen Produktionsstitte erfordert
zum einen in erheblichem Umfang die Erbringung von Bauleistungen (Tiefbau, Hochbau,
Ausbau), zum anderen werden - teilweise hochspezialisierte - Ausriistungsgiiter nach-
gefragt. Zur Abschitzung der regionalen Impulse ist deshalb neben einer (groben) Struk-
turierung der Nachfrage nach Giitern auch eine Vorstellung iiber die raumliche Verteilung
der Nachfrage notwendig™.

* In volkswirtschaftlicher Sichtweise kann die Reduktion eines Haushaltsdefizits des Staates je nach
theoretischer Sichtweise zu kontraktiven Effekten (Betonung von makrookonomischen Kreislaufmechanis-
men) oder zu stimulierenden Effekten (z.B. Stimulierung von privaten Investitionen und der Kreditauf-
nahme der privaten Haushalte) via die Wirkungskette Reduzierung der Kreditnachfrage des Staates —>
Senkung der Kapitalmarktzinsen) fiihren. In beiden Fillen ist das Ausmaf der kontraktiven oder stimulie-
renden Effekte einer Reduzierung des Finanzierungssaldos des Staates von der aktuellen konjunkturellen
Situation abhingig.

* Die durch diese Investition ausgeldste Produktion ist deutlich héher als die Investitionssumme, da die
Unternehmen, die Investitionsgiiter liefern, ihrerseits wiederum eine eigene Nachfrage nach Produkten
anderer Unternehmen entfalten (Vorleistungen wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; Dienstleistungen wie
z.B. Architekten- und Engineeringleistungen).

% Erfahrungsgemas ist der Teil der Nachfrage, der in einer Region verbleibt, je nach Art des nachge-
fragten Produkts unterschiedlich: Die Nachfrage nach Bauleistungen ist in der Regel deutlich stirker re-
gional gebunden als die Nachfrage nach Ausriistungsgiitern, die im interregionalen Wettbewerb angebo-
ten werden. Der Anteil der Nachfrage, der im Raum befriedigt werden kann, nimmt tendenziell mit dem
Grad der Spezialisierung ab.
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2. Betriebsphase

Nach Inbetriebnahme des Halbleiterwerks werden von der Produktion dauerhafte wirt-
schaftliche Impulse ausgehen. Zum einen entsteht durch die Beschiftigung im Werk selbst
Einkommen und damit Nachfrage in der Region. Zum anderen erfordert der Betrieb den
dauernden Bezug von Vorleistungen anderer Unternehmen. Auch diese werden teilweise
aus der Region Dresden selbst, teilweise aus anderen Regionen Deutschlands oder dem
Ausland bezogen werden.

Als wesentliche quantitative Impulse lassen sich aus Sicht des verwendeten Analysein-
strumentariums unterscheiden:

— Investitionsaufwendungen: Bau- und Ausriistungsinvestitionen (Bau- und Errichtungs-
phase),

— Vorleistungen: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Dienstleistungen Dritter (Be-
triebsphase),

— Personalaufwendungen (Betriebsphase).

Die Investitionen und Vorleistungen sind weiterhin nach ihrer gitermiBigen Zusam-
mensetzung zu differenzieren: Die mit ihrer Herstellung verbundenen Produktions- und
Beschiftigungseffekte unterscheiden sich sektoral erheblich. So sind beispielsweise die
Beschiftigungseffekte, die von Aufwendungen von 1 Mill. DM fiir Hochbauinvestitionen
ausgelost werden, deutlich hoher als die Effekte, die von Aufwendungen gleicher Hohe
fiir Erzeugnisse der elektrotechnischen Industrie ausgelost werden. Ursichlich hierfiir
sind in erster Linie sektorale Unterschiede in der Arbeits- und Kapitalproduktivitit. Das
fiir die Analyse eingesetzte Analyseinstrumentarium unterscheidet insgesamt 58 unter-
schiedliche Sektoren der Volkswirtschaft. Entsprechend sind die identifizierten primiren
Impulse in dieser Disaggregation zu erheben oder hilfsweise auf Basis aller verfiigbaren
Informationen auf diese Strukturen zu verteilen.

Ziel der Untersuchung ist zum einen eine Analyse der ausgelosten Effekte auf der Ebe-
ne der Volkswirtschaft. Dariiber hinaus wird jedoch auch untersucht, in welchem Umfang
die Region Dresden von diesen Effekten profitiert. Um dieses Analyseziel zu erreichen,
ist eine regionale Gliederung der Ausgaben fiir Investitionen und Vorleistungen von Be-
deutung: Es ist zu beriicksichtigen, ob die Auftrage fiir bestimmte Giiter und Dienstlei-
stungen vorwiegend an ortsansissige, inlindische oder auslindische Firmen erteilt wer-
den.

Die giitermiBige und regionale Aufteilung der primiren Impulse wird unter Verwen-
dung von Informationen des Investors, der Kommune (als Verantwortliche fiir die Infra-
struktur) und von Informationen ausgewihlter Zulieferer und Ausrister durchgefiihrt.

4.1.1. Bau- und Errichtungsphase

Durch die verausgabten Investitionsmittel in der Bau- und Errichtungsphase des Halb-
leiterwerks SIMEC werden fiir einen befristeten Zeitraum erhebliche Impulse ausgelost,
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die wiederum okonomische Folgeeffekte auf unterschiedlichen regionalen Ebenen - im
Ausland, in Deutschland und insbesondere in der Region Dresden - bewirken.

Die Neuinvestitionen am Standort (ohne Ersatzinvestitionen) belaufen sich iiber einen
Zeitraum von 10 Jahren, also fiir die Jahre 1994 bis 2003, nach Planungen der Siemens
AG auf ca. 2,7 Mrd. DM (vgl. Abschnitt 2.1). Nach eigenen Schitzungen sind fiir das
Investitionsvorhaben bisher im Zeitraum 1994 bis Ende 1996 ca. 1,7 Mrd. DM veraus-
gabt worden.

Da die ausgelosten okonomischen Folgeeffekte sowohl in ihrem Umfang wie in ihrer
regionalen Zuordnung in erheblichem AusmalB von der gitermiBigen Zusammensetzung
der getitigten Investitionen determiniert werden, ist eine geeignete Disaggregation der
Investitionsausgaben von groBer Bedeutung fir die Zuverldssigkeit und Qualitit der zu
erzielenden Analyseergebnisse.

Es ist sinnvoll, folgende Typen und Arten von Investitionsaktivititen zu unterscheiden:
— Rohbau, Infrastruktur, Ausbau, konventionelle technische Ausriistung
— Clean room and Clean facility
— Medienver- und entsorgung
— Planung und Projektsteuerung
~ Offentliche Infrastruktur
— Equipment

Die Investitionsaktivititen im Bereich Rohbau, Infrastruktur, Ausbau, konventionelle
technische Ausriistung enthalten im wesentlichen die zu einem erheblichen Teil technolo-
gieunspezifischen Baumainahmen am Standort, die im Hinblick auf die nachgefragten
Giiter und die Struktur der beauftragten Firmen mit anderen industriellen GroBinvestitio-

nen ,auf der grimen Wiese“ vergleichbar sind. Fiir diesen Bereich sind insgesamt
310 Mill. DM (schwerpunktmiBig im Jahr 1995) verausgabt worden.

Im Bereich Clean room and Clean facility werden die Bauaktivititen zusammengefafit,
die im Zusammenhang mit der Errichtung und technischen Ausriistung der Reinstriume
in Modul 1 und 2 durchgefiihrt werden. Hierbei handelt es sich um spezialisierte techni-
sche Ausriistungen und Leistungen, die von Unternehmen erbracht wurden, die in einer
projektspezifischen , Arbeitsgemeinschaft Clean System“ zusammengefait waren. Insge-
samt betrug das Auftragsvolumen in diesem Bereich rund 200 Mill. DM,

Der Bereich Medienver- und -entsorgung umfaBt alle technischen Ausriistungen, die zur
Versorgung des Produktionsprozesses mit Gasen, chemischen Produkten und Reinstwas-
ser notwendig sind. Wegen der Komplexitit des Produktionsprozesses und der besonderen
Anforderungen an Qualitit und Reinheit der verwendeten Medien handelt es sich hier um
spezialisierte Ausriistungen und Leistungen, die nur von ausgewihlten Spezialfirmen er-
bracht werden konnen. In diesem Bereich sind Investitionskosten von 85 Mill. DM ent-
standen.
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Die Planung und Projektsteuerung wurde wie bei solchen GroBvorhaben iiblich nicht
nur vom Investor selbst, sondern auch von spezialisierten Dienstleistungsunternehmen
durchgefiihrt. Der Auftragswert dieser Leistungen lag bei rund 50 Mill. DM.

Im Zusammenhang mit der Errichtung des Halbleiterwerks waren auch erhebliche
offentliche Infrastrukturinvestitionen notwendig. Sie umfassen zum Beispiel Investitionen
zur Stromversorgung, zur Wasserversorgung und zur Abwasserentsorgung wie auch
MaBnahmen zur verkehrlichen Anbindung des Produktionsstandorts. Insgesamt sind
hierfiir von verschiedenen (offentlichen) Unternehmen und der Stadt Dresden rund
50 Mill. DM verausgabt worden.

Den groBten Anteil an den Investitionskosten des Halbleiterwerks machen die Ausgaben
fiir das Equipment aus. Hierzu werden alle Maschinen und Ausriistungen gezihlt, die in
den verschiedenen Prozefischritten der Halbleiterfertigung eingesetzt werden. Es handelt
sich um hochkomplexe Ausriistungen, an die hochste Anforderungen im Hinblick auf
Qualitit und Zuverldssigkeit gestellt werden, so dafl vor allem Unternehmen zum Zuge
kommen, mit denen der Investor schon etablierte Bezichungen an anderen Produktions-
oder Entwicklungsstandorten aufgebaut hat. Die Investitionsausgaben im Equipmentbe-
reich liegen bis Ende 1996 bei rund 1 Mrd. DM.

Tabelle 4.1-1

Investitionsausgaben fiir das Halbleiterwerk Dresden nach Bereichen

in Mill. DM
Investitionsbereich 1994 1995 1996 Summe
Rohbau, Infrastruktur, Ausbau, 50 260 0 310
konventionelle technische Ausriistung
Clean room and Clean facility 0 170 35 205
Medienver- und -entsorgung 0 70 15 85
Planung und Projektsteuerung 40 10 0 50
Offentliche Infrastruktur 40 10 0 50
Equipment 0 600 400 1000
Insgesamt 130 1120 450 1700
Quelle: Schitzungen des DIW.

Regionale Struktur der Investitionsausgaben

Neben einer Aufschliisselung der Ausgaben des gesamten Investitionsvorhabens nach
bestimmten Investitionsbereichen, die Riickschliisse auf die Struktur der nachgefragten
Giiter erlaubt, ist in einem zweiten Schritt eine Abschitzung dariiber notwendig, wo die
hier spezifizierte Nachfrage regional wirksam wird. Diese Informationen sind von Bedeu-
tung, weil sich nur so die Frage beantworten 1d8t, welche aus diesen primiren Impulse
ableitbaren volkswirtschaftlichen Folgeeffekte in Deutschland und welche in der Region
Dresden zu erwarten sind (vgl. Abschnitt 4.2). An dieser Stelle wird abgeschitzt, in wel-
cher Region der primire Impuls zunichst wirksam wird, d.h. in welche Region die Nach-
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frage zunichst (,,in der ersten Runde*) flieBt. Davon zu trennen ist die Frage, in welchen
Regionen die aus diesem Impuls resultierenden Folgewirkungen wirksam werden. Eine
Antwort auf diese Fragestellung ergibt sich im Rahmen der fiir die Analyse eingesetzten
wirkungsanalytischen Modelle.

Die Schitzungen iber die regionale Verteilung der Investitionsausgaben beruhen im
wesentlichen auf Angaben des Investors iiber beauftragte Unternehmen und auf der Aus-
wertung von iiber 20 miindlichen Unternehmensbefragungen. Da eine vollstindige Befra-
gung aller am Investitionsvorhaben beteiligten Unternehmen nicht moglich war, sind die
hier vorgelegten Schitzungen in der Regel das Ergebnis von Hochrechnungen.

Die Nachfrage nach Bauleistungen ist deutlich stirker regional gebunden als die Nach-
frage nach Ausriistungsgiitern, die im interregionalen Wettbewerb angeboten werden. Zu-
dem nimmt der Anteil der Nachfrage, der im Raum befriedigt werden kann, tendenziell
mit dem Grad der Spezialisierung ab. Diese Grunderfahrung gilt bei dem hier untersuch-
ten Investitionsvorhaben in besonderem Mafe, da bei allen nachgefragten Leistungen, die
iber den traditionellen Roh- und Ausbau und die konventionelle Gebiudeinfrastruktur
und -ausriistung hinausgehen, halbleiterspezifische Kenntnisse und Erfahrungen notwen-
dig sind. In Ubereinstimmung mit diesen Uberlegungen ist auch die Entscheidung des In-
vestors zu sehen, bei der Vergabe von konventionellen Bauleistungen einen hohen Anteil
lokaler Wertschopfung anzustreben, wihrend bei den iibrigen Investitionsbereichen die
Auftragsvergabe im nationalen und internationalen Wettbewerb ohne besondere Beriick-
sichtigung der lokalen Wertschopfung erfolgte.

Im Investitionsbereich Rohbau, Infrastruktur, Ausbau, konventionelle technische Aus-
riistung wurden nach Schitzungen des DIW 78 % der Auftrige (242 Mill. DM) an Un-
ternehmen in der Region oder zeitweise in der Region ansissige Unternehmen vergeben,
wiihrend die restlichen 22 % der Auftrige (68 Mill. DM) an Unternehmen aus anderen
Gebieten in Deutschland gingen37. Bei den Ausgaben fiir die Offentliche Infrastruktur
wird von einem lokalen Auftragsanteil von 100 % ausgegangen. Fiir den Bereich Clean
room and Clean facility, der bei der Leistungserstellung iiberwiegend bereits einen engen
Technologiebezug aufweist, ergibt sich fiir Unternehmen aus der Region ungefihr ein
Auftragsanteil von 40 % (82 Mill. DM), fiir Unternehmen aus anderen Regionen
Deutschlands ein Anteil von 60 % (123 Mill. DM). Deutlich geringer ist der lokale An-
teil an der Auftragsvergabe im Bereich Medienver- und entsorgung (14 %), wihrend die
restlichen 86 % der Auftrige (73 Mill. DM) an Unternehmen aus dem iibrigen Deutsch-
land gingen.

¥ Fiir die Investitionsbereiche Rohbau, Infrastrukur, Ausbau, konventionelle technische Ausriistung
sowie Clean room and Clean facility und Medienver- und entsorgung konnte neben eigenen Schitzungen
auch auf detaillierte Aufstellungen des Investors iiber die regionale Verteilung der Aufiragsvergabe zu-
riickgegriffen werden.
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Tabelle 4.1-2

Regionale Verteilung der Investitionsausgaben fiir das Halbleiterwerk Dresden
nach Bereichen

Deutschland
1ns- davon
gesamt
Investitionsbereich ohne .
Region Region Rest
Dresden Dresden | der Welt | Summe
in %
Rohbau, Infrastruktur, Ausbau, kon- 100 22 78 0 100
ventionelle technische Ausriistung
Clean room and Clean facility 100 60 40 0 100
Medienver- und -entsorgung 100 86 14 0 100
Planung und Projektsteuerung 100 20 80 0 100
Offentliche Infrastruktur 100 0 100 0 100
Equipment 9 6 3 91 100
in Millionen DM
Rohbau, Infrastruktur, Ausbau, kon- 310 68 242 0 310
ventionelle technische Ausriistung
Clean room and Clean facility 205 123 82 0 205
Medienver- und -entsorgung 85 73 12 0 85
Planung und Projektsteuerung 50 10 40 0 50
Offentliche Infrastruktur 50 0 50 0 50
Equipment 90 60 30 910 1000
Quelle: Schitzungen und Berechnungen des DIW.

Bei der Auftragsvergabe fiir Equipment sind nur rund 3 % der Auftrige an wenige aus-
gewihlte Unternehmen aus der Region erteilt werden, an Unternehmen aus dem iibrigen
Bundesgebiet flossen schitzungsweise 6 % des Auftragsvolumens. Der iibergroBe Anteil
von 91 % der Equipmentauftrige (910 Mill. DM) ging an auslindische Unternehmen,
vorwiegend aus den USA und Japan™. Diese Zahlen sind zum einen Ausdruck der Wett-
bewerbs- und Marktschwiche der deutschen und europiischen Equipmentindustrie. Zum
anderen ist zu beriicksichtigen, dafl die Etablierung eines technisch fortschrittlichen,
groBvolumigen Halbleiterfertigungsprozesses die Zusammenarbeit des Investors mit den
weltweit jeweils filhrenden Equipmentlieferanten erfordert. Von besonderer Bedeutung
sind dabei die Erfahrungen des Investors mit dem jeweiligen Zulieferer an den anderen
Fertigungs- und Entwicklungsstandorten des Konzerns.

% Eine Rangfolge der wichtigsten Equipmentlieferanten nach abgewickeltem Auftragsvolumen konnte
nach eigenen Recherchen folgendes Aussehen haben: (1) Applied Materials (USA), (2) Canon (Japan),
(3) Tokyo Electron Ltd. (Japan), (4) Silicon Valley Group (USA), (5) ASYST (USA), (6) STEAG-
Microtech (D), (7) Eaton (USA), (8) Edwards (USA).
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4.1.2. Betriebsphase

Mit der Inbetriebnahme des Halbleiterwerks gehen von der fortlaufenden Produktion
dauerhafte Impulse fiir die wirtschaftliche Entwicklung in der Region und in Deutschland
aus. Der ProduktionsprozeB erfordert stindig den Einsatz von Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffen, die durch Zulieferungen anderer Unternehmen aus der Region, aus Deutschland
und aus der Welt zur Verfiigung gestellt werden. Es wird also eine Nachfrage nach Pro-
dukten entfaltet, die bei den zuliefernden Unternehmen wiederum Produktions- und Be-
schiftigungseffekte auslost.

Durch die direkte Beschiftigung im Werk selbst entsteht zusitzliches Einkommen in der
Region und damit - vermittelt iiber das Ausgabeverhalten der Beschiftigten - zusitzliche
Nachfrage der privaten Haushalte nach verschiedenen Produkten.

Vorleistungen zum Betrieb des Halbleiterwerks

Die Schitzungen iiber den Bezug von Vorleistungen zum Betrieb des Halbleiterwerks
basieren auf Angaben des Investors und eigenen Erhebungen. Betrachtet wird der Zeit-
raum 1995 bis 1997 , der durch die Errichtung und das Hochfahren der Produktion
(,ramp up“) gekennzeichnet ist und die Zeit danach, die durch eine Schitzung unter dem
Begriff ,, Normalbetrieb“ gekennzeichnet ist. Naturgemaf ist die Unsicherheit der Schit-
zung fiir das Jahr 1997 und den ,, Normalbetrieb “ mit grofieren Unsicherheiten belastet als
fiir die Jahre 1995 und 1996, fiir die belastbare Angaben vorliegen.

Unterschieden werden zum einen der Einsatz von Rohstoffen, die als direktes Ferti-
gungsmaterial in die Produkte selbst stofflich eingehen und zum anderen Hilfs- und Be-
triebsstoffe, die im Produktionsprozef§ indirekt verwandt werden. Diese Grobunterschei-
dung erlaubt in der weiteren Analyse eine stirkere giitermiBige Disaggregation der Vor-
leistungen.

In den Jahren 1995 bis 1997 werden insgesamt Rohstoffe im Wert von 370 Mill. DM
als Vorleistungen nachgefragt. Fiir die Phase des Normalbetriebs wird ein Nachfragevo-
lumen von 200 Mill. DM pro Jahr angenommen.

Bei den Hilfs- und Betriebsstoffen wird fiir den Zeitraum 1995 bis 1997 ein Nachfrage-
volumen von 220 Mill. DM geschitzt, wihrend fiir die Phase des Normalbetriebs eine
Nachfrage von 70 Mill. DM pro Jahr unterstellt wird.

Tabelle 4.1-3
Nachfrage nach Vorleistungen durch das Halbleiterwerk Dresden in Mill. DM

Art der Vorleistung 1995 1996 1997 Normalbetrieb
Rohstoffe 40 150 180 200
Hilfs- und Betriebsstoffe 50 100 70 70
Insgesamt 90 250 250 270
Quelle: Schitzungen des DIW.
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Einkommen aus der direkten Beschdftigung im Halbleiterwerk

Die Lohn- und Gehaltszahlungen an die Beschiftigten im Halbleiterwerk bedeuten einen
zusitzlichen Einkommensimpuls fiir die Region Dresden. Das zusitzliche Einkommen
bildet die Basis fiir einen Nachfrageimpuls nach Giitern des privaten Verbrauchs, der in
der Region, im iibrigen Deutschland und im Ausland wirksam wird.

Tabelle 4.1-4

Regionale Verteilung der Vorleistungsnachfrage
durch das Halbleiterwerk Dresden

in %
Deutschland
insgesamt davon:
Art der Vorleistung R(;l;?sn Region Rest
Dresden der Welt Summe
Dresden
In der Aufbauphase
Rohstoffe 5 3 2 95 100
Hilfs- und Betriebsstoffe 80 20 60 20 100
In der Phase Normalbetrich

Rohstoffe 9 6 3 91 100
Hilfs- und Betriebsstoffe 90 75 15 10 100
Quelle: Schitzungen des DIW.

Die Zahl der Beschiftigten im Werk ist - im jeweiligen Jahresduchschnitt gerechnet -
von schitzungsweise 100 Personen 1994 auf rund 1 400 Personen im Jahr 1996 gewach-
sen. Die Beschiftigung im Normalbetrieb, die gegen Ende 1996 erreicht sein diirfte, be-
trigt nach dem derzeitigen Planungsstand 1 850 Personen.

Tabelle 4.1-5

Beschiftigte im Halbleiterwerk Dresden
in Personen im Jahresdurchschnitt

1994 1995 1996 Normalbetrieb

Beschiftigte 100 600 1400 1850

Quelle: Schitzungen des DIW

Die Bruttojahreseinkommen der Beschiftigten werden in Abstimmung mit Angaben des
Investors in einer Modellrechnung bestimmt. Es werden die vier reprisentativen Beschif-
tigtengruppen

4 Belitz u. a.
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— Hochschul- und Fachhochschulabsolventen natur- bzw. ingenieurwissenschaftlicher
Ausrichtung

— Kaufminnische und nichttechnische Mitarbeiter
— Facharbeiter und Meister

— Operatoren

unterschieden, fiir die jeweils typische durchschnittliche Einkommen pro Mitarbeiter
angenommen werden. Insgesamt ergibt sich nach dieser Modellrechnung in der Pha-
se des Normalbetriebs ein Bruttojahreseinkommen der Beschiftigten in Hohe von
110 Mill. DM”,

Die Abschitzung des tatsdchlichen Nachfrageimpulses, der sich aus dem Bruttoein-
kommen der direkten Beschiftigten ergibt, erfordert eine weitere detaillierte Modellrech-
nung, die es erlaubt, zunichst von den Bruttoeinkommen der Beschiftigten iiber die Mo-
dellierung der Steuer- und Sozialabgaben auf die verfiigbaren Einkommen der Beschiftig-
ten zu schlieBen. Die Schitzung der Steuer- und Sozialabgaben erfolgt, in dem fiir jede
der oben beschriebenen Beschiftigtengruppen auf Basis der derzeit giiltigen Vorschriften
des Steuertarifs und der gesetzlichen Abgaben zur Arbeitslosen-, Renten- und Kranken-
versicherung die gesetzlichen Steuern und Abgaben berechnet und jeweils mit der Zahl
der beschiftigten Personen hochgerechnet werden (vgl. hierzu im Detail Abschnitt 4.2.2).

Tabelle 4.1-6

Bruttolohn- und Gehaltssumme der Beschiftigten im Halbleiterwerk Dresden
in der Phase des Normalbetriebs

Zahl der Bruttoeinkommen | Bruttojahres-

Beschiftigtengruppe Personen pro Mitarbeiter einkommen
in 1 000 DM in Mill. DM

Hochschul- und Fachhochschulabsolven- 370 85 31.5
ten natur- bzw. ingenieurwissenschaftli-
cher Ausrichtung
Kaufminnische und nichttechnische Mit- 278 65 18.0
arbeiter
Facharbeiter und Meister 370 61 22.5
Operatoren 832 45 37.5
Insgesamt 1850 109.5
Quelle: Schitzungen und Berechnungen des DIW.

Auf die sich so ergebenden verfiigbaren Einkommen von 79.2 Mill. DM wird eine
durchschnittliche Sparquote von 10 % angewandt, so daB sich aus dem Einkommen der

* Die Bruttolohn- und Gehaltssumme, die von SIMEC als Arbeitgeber aufgewendet werden muf, ist
hoher, da in der hier ausgewiesenen Summe von 110 Mill. DM die Arbeitgeberanteile zur Renten-,
Kranken- und Arbeitslosenversicherung nicht enthalten sind.
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direkt Beschiftigten ein primdrer Nachfrageimpuls fiir den privaten Verbrauch von
71.2 Mill. DM ergibt. Von dieser Summe werden rund 63 Mill. DM in Deutschland ver-
ausgabt, der Rest, also rund 11 %, wird im Ausland nachfragewirksam. Die Aufteilung
der in Deutschland wirksamen Nachfrage auf die Regionen Dresden und iibriges
Deutschland wird durch Schitzungen auf tiefer sektoraler Ebene untermauert (vgl. Tabel-
le 4.1-7). Im Ergebnis entfallen 65 % des in Deutschland wirksamen Nachfrageimpulses
(41 Mill. DM) auf die Region Dresden und 35 % (22 Mill. DM) auf die iibrigen Regio-
nen Deutschlands.

4.2. Modellrechnungen zu den quantifizierbaren
volkswirtschaftlichen und regionalen Effekten

Im Vordergrund der Modellrechnungen zu den quantifizierbaren volkswirtschaftlichen
und regionalen Effekten des Halbleiterwerks Dresden stehen die Folgewirkungen fiir Pro-
duktion, Beschiftigung und die fiskalische Situation des Staates, die sich aus den zuvor
beschriebenen primiren Impulsen ergeben. Die Folgewirkungen werden mit Hilfe einer
quantitativen modellgestiitzten Analyse abgeleitet. Bei den Beschiftigungswirkungen wird
zwischen den Effekten, die sich fiir die deutsche Volkswirtschaft insgesamt ergeben, und
den Effekten, die sich fiir die Region Dresden erwarten lassen, unterschieden, wobei die
beiden regionalen Analyseebenen konsistent miteinander verkniipft sind. Bei der Analyse
der fiskalischen Wirkungen wird dagegen nur auf die gesamtstaatliche Ebene abgestellt.

Die Abschitzung der quantifizierbaren volkswirtschaftlichen und regionalen Effekte er-
folgt mit Hilfe von empirischen Analysemodellen. Innerhalb dieser Modelle werden die
auf der volkswirtschaftlichen Ebene giiltigen Wirkungszusammenhinge abgebildet, so da§
es moglich ist, die durch die primiren Impulse ausgelosten Sekunddireffekte mit in die
Analyse einzubeziehen.

Durch die Anwendung des Input-Output-Modells werden die produktionstechnischen
Verflechtungen innerhalb der Volkswirtschaft in den Vordergrund gestellt. Es wird be-
riicksichtigt, daB ein Unternehmen, das mit seiner Produktion eine bestimmte Nachfrage
befriedigt, selbst wiederum Vorleistungen von anderen Unternehmen nachfragt. Auch in
diesen Unter- nehmen entsteht Produktion und Beschiftigung, gleichzeitig werden wie-
derum Vorleistungen nachgefragt. Diese sogenannten indirekten Produktionseffekte wer-
den mit dem Instrumentarium der Input-Output-Analyse ermittelt. Gleichzeitig erlaubt
diese Methode die Beriicksichtigung der sektoralen Dimension, d.h. die entstehenden
Produktions- und Beschiftigungseffekte lassen sich bestimmten Sektoren der Volkswirt-
schaft zuordnen. Durch die erginzende Anwendung eines gesamtwirtschaftlichen 6kono-
metrischen Modells werden vor allem die iiber den Kreislaufzusammenhang der Volks-
wirtschaft wirksamen Multiplikator- und Einkommenseffekte fiir bestimmte Fragestellun-
gen mit einbezogen. Die methodischen Grundlagen und Uberlegungen zur empirischen
Spezifizierung der eingesetzten Analysemodelle werden im methodischen Anhang genauer
beschrieben.

4%
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Tabelle 4.1-7

Regionale Verteilung des privaten Verbrauchs
auf Regionen in Deutschland in %

Sektoren Ubriges Region
Deutschland Dresden

1 Produkte der Landwirtschaft 20 80

2 Produkte der Forstw., Fischerei usw. 20 80

3 Elektrizitat, Dampf, Warmwasser 30 70

4 Gas 30 70

5 Wasser 5 95

6 Kohle, Erz. des Kohlenbergbaus 100 0

7 Bergbauerz. (ohne Kohle, Erddl, Erdgas) 100 0

8 Erdol, Erdgas 100 0

9 Chemische Erzeugnisse, Spalt- u. Brutstoffe 60 40
10 Mineral6lerzeugnisse 75 25
1 Kunststofferzeugnisse 80 20
12 Gummierzeugnisse 80 20
13 Steine und Erden, Baustoffe usw. 40 60
14 Feinkeramische Erzeugnisse 85 15
15 Glas und Glaswaren 70 30
16 Eisen und Stahl 100 0
17 NE-Metalle, NE-Metallhalbzeug 100 0
18 Giellereierzeugnisse 100 0
19 Erz. der Ziehereien, Kaltwalzwerke usw. 70 30
20 Stahl- u. Leichtmetallbauerz., Schienenfahrzeuge 60 40
21 Maschinenbauerzeugnisse 80 20
22 Biiromaschinen, ADV-Gerite u. -Einrichtungen 70 30
23 StraBenfahrzeuge 80 20
24 Wasserfahrzeuge 100 0
25 Luft- u. Raumfahrzeuge 100 0
26 Elektrotechnische Erzeugnisse 75 25
27 Feinmechanische u. optische Erz., Uhren 65 35
28 Eisen-, Blech- und Metallwaren 70 30
29 Musikinstr., Spielwaren, Sportgerate usw. 70 30
30 Holz 100 0
31 Holzwaren 75 25
32 Zelistoff, Holzschliff, Papier, Pappe 100 0
33 Papier-und Pappewaren 50 50
34 Erz. der Druckerei u. Vervielfiltigung 40 60
35 Leder, Lederwaren, Schuhe 80 20
36 Textilien 80 20
37 Bekleidung 75 25
38 Nahrungsmittel (ohne Getranke) 60 40
39 Getranke 50 50
40 Tabakwaren 75 25
41 Hoch- u. Tiefbauleistungen u. a. 23 77
42 Ausbauleistungen 16 84
43 Dienstl. des GroRhandels u. 4., Riickgewinnung 35 65
44 Dienstl. des Einzelhandels 10 90
45 Dienstl. der Eisenbahnen 40 60
46 Dienstl. der Schiff., Wasserstr., Hafen 40 60
47 Dienstl. des Postdienstes u. Fernmeldewesens 20 80
48 Dienstl. des sonstigen Verkehrs 30 70
49 Dienstl. der Kreditinstitute 30 70
50 Dienstl. der Versicherungen (ohne SV) 40 60
51 Dienstl. der Gebaude- u. Wohnungsvermietung 5 95
52 Marktbest. DL des Gastgewerbes u. d. Heime 30 70
53 Dienstl. der Wiss. u. Kultur u. d. Verlage 35 65
54 Marktbest. DL des Gesundh. u. Vet.-Wesens 10 90
55 Sonstige marktbest. Dienstleistungen 33 67
56 Dienstl. der Gebietskorperschaften 5 95
57 Dienstl. der Sozialversicherung 100 0
58 Dl. der priv. Org. o. Erw., hausliche Dienste 35 65

Quelle: Schatzungen des DIW.
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4.2.1. Produktions- und Beschiftigungswirkungen

4.2.1.1. Produktions- und
Beschiftigungswirkungen in der Bau- und Errichtungsphase

Die Bau- und Errichtungskosten des Halbleiterwerks belaufen sich ohne Equipment
schitzungsweise auf 710 Mill. DM. In die Region Dresden floB dadurch ein temporirer
Nachfrageimpuls von 426 Mill. DM, in das iibrige Bundesgebiet ein Impuls von
274 Mill. DM. Insgesamt wird durch diese Nachfrage nach Bau- und Ausriistungsinvesti-
tionen in der Volkswirtschaft eine Bruttoproduktion von 1,2 Mrd. DM angestoBen, durch
die Bauaktivititen wurde also in den Unternehmen, die Vorleistungen an die ausfiihren-
den Bauunternehmen lieferten, noch einmal eine zusitzliche Produktion (indirekte Pro-
duktionswirkungen) von rund 500 Mill. DM induziert. Die insgesamt angestoene Brut-
toproduktion verteilte sich ungefihr in gleichen Teilen auf die Region Dresden
(614 Mill. DM) und auf das iibrige Bundesgebiet (619 Mill. DM).

Durch die angestofienen indirekten Produktionswirkungen profitieren auch andere als
die unmittelbar beauftragten Bauunternechmen von der Errichtung des Halbleiterwerks.
So werden z. B. in der chemischen Industrie Umsitze von 70 Mill. DM und im Sektor
Steine und Erden Umsitze von 50 Mill. DM ausgelost. Die grofiten Umsitze fallen in
Unternehmen des Ausbaugewerbes (260 Mill. DM), bei Hoch- und Tietbauunternehmen
(237 Mill. DM) und bei Unternehmen aus dem Bereich sonstige marktbestimmte Dienst-
leistungen (254 Mill. DM) an, die unter anderem die Planungs-, Engineering- und Archi-
tektenleistungen durchgefiihrt haben.

Tabelle 4.2-1

Durch den Bau des Halbleiterwerks induzierte Produktion in Deutschland
nach ausgewihlten Sektoren

Induzierte Produktion
Ausgewihlte Sektoren in Mill. DM in %
9 Chemische Erzeugnisse, Spalt- u. Brutst. 70 5,7
13 Steine und Erden, Baustoffe usw. 51 4.1
41 Hoch- u. Tiefbauleistungen u.4. 237 19,2
42 Ausbauleistungen 260 21,1
43 Dienstl. des Grofhandels u.d., Riickgew. 32 2,6
55 Sonstige marktbest. Dienstleistungen 254 20,6
tibrige Sektoren 329 26,7
Insgesamt 1233 100,0
Quelle: Berechnungen des DIW.

Zur Erbringung dieser durch den Bau des Halbleiterwerks angestoenen Produktion in
Deutschland ist insgesamt ein Beschiftigungsvolumen von 8 390 Personenjahren not-
wendig. Gut 5 000 Personenjahre fallen direkt bei den mit Errichtung beauftragten Un-
ternehmen an (62 % des Gesamteffektes), 3 300 Personenjahre sind notwendig, um die
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Produktion bei den zuliefernden Unternehmen zu erbringen. Von dem insgesamt not-
wendigen Arbeitsinput fallen 46 % in Bauunternehmen an (22,5 %, in Hoch- und Tief-
bauunternehmen, 23,5 % in Unternehmen des Ausbaugewerbes). In Unternehmen, die
sonstige marktbestimmte Dienstleistungen erbringen, entstehen 20 % des Beschiftigungs-
effektes.

Auf die Region Dresden entfallen 62 % des induzierten Arbeitsvolumens, also rund
5 200 Personenjahre, davon 3 400 direkt bei am Bauprojekt beteiligten Unternehmen und
1 800 indirekt bei zuliefernden Unternehmen. In der Region ist der Anteil der Beschiftig-
ten in Bauunternehmen mit 54 % hoher als im iibrigen Bundesgebiet.

Tabelle 4.2-2

Durch den Bau des Halbleiterwerks induzierte Beschiftigung in Personenjahren

Induzierte Beschiftigung
Ausgewihlte Sektoren Personenjahre | Anteile in %
Deutschland
9 Chemische Erzeugnisse, Spalt- u. Brutstoffe 224 2,7
13 Steine und Erden, Baustoffe usw. 185 2,2
41 Hoch- u. Tiefbauleistungen u.4. 1 887 22,5
42 | Ausbauleistungen 1971 23,5
43 Dienstl. des GroBhandels u.4., Riickgewinung 332 4,0
55 Sonstige marktbest. Dienstleistungen 1675 20,0
ubrige Sektoren 2115 25,1
Insgesamt 8 389 100,0
darunter: Region Dresden
9 Chemische Erzeugnisse, Spalt- u. Brutstoffe 74 1,4
13 Steine und Erden, Baustoffe usw. 61 1,2
41 Hoch- u. Tiefbauleistungen u.4. 1 584 30,4
4?2 Ausbauleistungen 1225 23,5
43 Dienstl. des GroBhandels u.4., Riickgewinnung 201 3,9
55 Sonstige marktbest. Dienstleistungen 990 19,0
iibrige Sektoren 1076 20,6
Insgesamt 5211 100,0
Quelle: Berechnungen des DIW.

Die durch den Bau des Halbleiterwerks (ohne Equipment) insgesamt ausgeloste Be-
schiftigung von 8389 Personenjahren in Deutschland verteilt sich entsprechend des tat-
sichlichen Baugeschehens auf die Jahre 1994 bis 1996. Im Jahr 1994 wurden 2 072 Ar-
beitsplitze ausgelastet, im Jahr 1995 war der Beschiftigungseffekt mit 5 787 Arbeits-
plitzen am grofiten, im Jahr 1996 betrug er 530 Arbeitsplitze. Im Gegensatz zu den dau-
erhaften Beschiftigungseffekten aus dem Betrieb des Halbleiterwerks, die im nichsten
Abschnitt dargestellt werden, handelt es sich bei den vom Bau induzierten Beschifti-
gungseffekten um einen einmaligen, auf die Jahre 1994 bis 1996 beschriankten Effekt.
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4.2.1.2. Produktions- und Beschiftigungswirkungen in der Betriebsphase

Der dauerhafte, langfristig wirkende Beschiftigungseffekt fiir die Volkswirtschaft und
die Region Dresden entsteht wihrend der Betriebsphase des Halbleiterwerks. Um die
Analyse der Beschiftigungseffekte transparenter zu machen, werden drei unterschiedliche
Komponenten getrennt betrachtet:

— Direkte Beschiftigung im Halbleiterwerk
— Beschiftigungseffekte durch Zulieferungen fiir den Betrieb (einschlieBlich Equipment)
— Beschiftigungseffekte durch das Einkommen der zusitzlich Beschiftigten

Zur direkten Beschiftigung werden alle Personen gezihlt, die unmittelbar als Mitarbei-
ter bei SIMEC beschiftigt sind. Auf der Basis von Angaben des Investors ist es moglich,
zusitzliche Strukturaussagen iiber die direkt Beschiftigten zu machen.

Zur Beschdftigung durch Zulieferungen fiir den Betrieb (einschlieflich Equipment) wer-
den die Personen gezihlt, die bei den Unternehmen beschiftigt sind, die an das Halb-
leiterwerk Giiter und Dienstleistungen als Vorleistungen zur Produktion liefern. Durch
die eingesetzte Analysemethode werden auch die Beschiftigungseftekte mitberiicksichtigt,
die bei all jenen Unternehmen entstehen, die fiir die Zulieferer selbst Vorprodukte zur
Verfiigung stellen. In dieser Komponente werden auch die Beschiftigungseffekte behan-
delt, die in Deutschland und in der Region bei den Equipmentlieferanten entstehen. Da
die eigentlichen Produktionseffekte bei der Herstellung des Equipments ganz iiberwiegend
im Ausland entstehen, handelt es sich bei der hier erfafiten Beschiftigung zu einem er-
heblichen Teil um Personen, die in Niederlassungen und Vertriebs- und Serviceeinrich-
tungen fiir die Inbetriebnahme und fiir die Wartung des Equipments wihrend des Betriebs
zustiandig sind.

Der Beschdftigungseffekt durch das Einkommen der zusdtzlich Beschdftigten umfaBt die
Beschiftigung, die dadurch induziert wird, daB das zusitzliche Einkommen, das wegen
der Standortentscheidung fiir das Halbleiterwerk in Deutschland und in der Region ent-
steht, (teilweise) wieder verausgabt wird. So entsteht, ausgelost durch die zusitzliche
Nachfrage und verstirkt durch gesamtwirtschaftliche Multiplikatoreffekte, ein quantifi-
zierbarer Beschiftigungseffekt.

Direkte Beschdftigung im Halbleiterwerk

Die urspriingliche Zielsetzung des Investors sah vor, im Halbleiterwerk SIMEC in der
Phase des Normalbetriebs 1 450 Mitarbeiter zu beschiftigen. Im Laufe des Jahres 1996
wurde diese Zielvorstellung um gut 25 % nach oben auf 1 850 Personen revidiert. Zum
Ende des Geschiftsjahres 1995/96 am 30.9.1996 waren 1 770 Mitarbeiter im Werk be-
schiftigt.

Der Aufbau der Beschiftigung im Halbleiterwerk erfolgte in den Jahren 1994 bis 1996
in folgenden Schritten:
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Tabelle 4.2-3
Entwicklung der Beschiftigung im Halbleiterwerk SIMEC
Mitarbeiter SIMEC

Stichtag (jeweils Ende des Geschiftsjahres) Bestand Zuwachs gegeniiber Vorjahr

30. September 1994 82 82

30. September 1995 852 770

30. September 1996 1773 1003
Quelle: SIMEC.

Etwa 20 % der Mitarbeiter des Halbleiterwerks haben einen Hochschul- oder Fach-
hochschulabschluB in einer naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen
Fachrichtung, etwa 15 % haben eine kaufminnische oder andere nicht-technische Ausbil-
dung (teilweise mit Hochschul- oder FachhochschulabschluB ), 20 % der Mitarbeiter ha-
ben eine gewerbliche Ausbildung und arbeiten als Facharbeiter oder Meister, 45 % der
Mitarbeiter sind als Operatoren in der eigentlichen Fertigung eingesetzt (auch bei diesen
Mitarbeitern wird eine abgeschlossene Berufsausbildung vorausgesetzt).

Tabelle 4.2-4
Beschiftigung im Halbleiterwerk SIMEC differenziert nach Qualiﬁkaﬁonen und Geschlecht

Mitarbeiter
Beschiftigtengruppe Insgesamt Frauen Minner
Hochschul- und Fachhochschulabsolventen natur- bzw.
ingenieurwissenschaftlicher Ausrichtung 370 75 295
Kaufménnische und nichttechnische Mitarbeiter 278 195 83
Facharbeiter und Meister 370 55 315
Operatoren 832 332 500
Insgesamt 1850 657 1193
Quelle: Schitzungen des DIW.

Von den 1 850 Mitarbeitern im Normalbetrieb sind etwa 65 % Minner und 35 % Frau-
en. Der Frauenanteil ist mit 70 % im kaufminnischen und nicht-technischen Bereich am
hochsten, gefolgt von 40 % bei den Operatoren.

Regionale Herkunft der Mitarbeiter

Von den Mitarbeitern im Werk kommen etwa 83 % aus dem Freistaat Sachsen, 4 % aus
den ibrigen neuen Bundeslindern, 10 % aus den alten Bundeslindern und 3 % aus dem
Ausland.

Funktionale Zuordnung des Mitarbeiter

Von den 1 850 Mitarbeitern lassen sich schitzungsweise 60 % der Produktion im
Front-end-Bereich, 10 % der Produktion im Back-end-Bereich, 12 % der Technikent-
wicklung und dem Innovationsbereich und 18 % anderen Organisationsbereichen im Un-
ternehmen zuordnen.
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Beschdftigungseffekte durch Zulieferungen fiir den Betrieb (einschlieflich Equipment)

Die auf Deutschland entfallende Nachfrage nach Vorleistungen (Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe) aus dem Betrieb des Halbleiterwerks SIMEC betrug im Jahr 1995
42 Mill. DM und loste in Deutschland eine Bruttoproduktion von 75 Mill. DM aus. Im
Jahr 1996 entsteht aus einer Nachfrage von 90 Mill. DM eine Produktion von
161 Mill. DM, im Jahr 1997 aus einer Nachfrage von 72 Mill. DM eine Produktion von
132 Mill. DM. In der Phase des Normalbetriebs ist damit zu rechnen, daB von dem ge-
samten Vorleistungsbezug des Halbleiterwerks von 270 Mill. DM in Deutschland
82 Mill. DM (30 % der gesamten Vorleistungsbezugs) nachfragewirksam werden und
insgesamt in Deutschland eine Bruttoproduktion von 149 Mill. DM auslosen.

Von der Vorleistungsproduktion fiir das Halbleiterwerk profitieren alle Branchen der
Volkswirtschaft, jedoch in sehr unterschiedlichem Umfang. Der groite Anteil der Pro-
duktion entfillt mit 19 % auf die chemische Industrie, gefolgt von Unternchmen des
Dienstleistungsbereichs, die 16 % der insgesamt erforderlichen Vorleistungsproduktion
erstellen. Andere Sektoren der Volkswirtschaft liefern deutliche geringere Anteile der
Vorleistungsproduktion.

Der Beschiftigungseffekt, der durch die benétigten Vorleistungen zum Betrieb des
Halbleiterwerks in Deutschland entsteht, betrug im Jahr 1995 593 Personen. In den Jah-
ren 1996 und 1997 ergibt sich ein Beschiftigungseftekt von 1 222 bzw. 1 003 Personen.
In der Phase des Normalbetriebs induziert das Halbleiterwerk durch seine Nachfrage nach
Vorprodukten in Deutschland eine Beschiftigung von 1 121 Personen. Ein iiberwiegender
Teil dieser Beschiftigung (72 % in der Phase des Normalbetriebs) fillt hiervon mit
886 Personen in der Region Dresden an.

Im Equipmentbereich ist der Teil der Nachfrage, der in Deutschland nachfragewirksam
wird, mit schitzungsweise 9 % der gesamten Equipmentausgaben eher gering. Dement-
sprechend fallen die Produktionswirkungen in Deutschland relativ gering aus. Weil die-
jenigen internationalen Equipmentproduzenten, die in bedeutendem Umfang am Investiti-
onsvorhaben beteiligt sind, in der Mehrzahl mit Serviceeinrichtungen oder Niederlassun-
gen vor Ort vertreten sind, ergibt sich in diesem Bereich dennoch ein Beschiftigungs-
effekt von iiber 400 Personen, der iiberwiegend in der Region Dresden konzentriert ist.
Im Jahr 1996 ist die geschitzte Beschiftigung in diesem Bereich mit 500 Personen am
hochsten, weil in diesem Jahr zusitzlich zu den Beschiftigten in den Niederlassungen und
Serviceeinrichtungen in Deutschland die groften Effekte bei Herstellern von Equipment
anfallen. In der Phase des Normalbetriebs wird von einem Beschiftigungseftekt von
430 Personen in Deutschland ausgegangen, hiervon entfallen 400 Personen auf die Re-
gion Dresden®.

“ Nach den veroffentlichten Planungen des Investors und eigenen Schitzungen tiber bisher verausgabte
Investitionsmittel ist im Zeitraum 1997 bis 2003 noch mit einem Investitionsvolumen von 1 Mrd. DM zu
rechnen, also mit einem Investitionsvolumen von durchschnittlich jahrlich 125 Mill. DM. Hiervon diirfte
der tiberwiegende Teil in den Equipmentbereich flieBen.
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(einschlieflich Equipment)

Tabelle 4.2-5
Beschiiftigungseffekte durch Zulieferungen fiir den Betrieb des Halbleiterwerks

1995 [ 1996 | 1997 | Normalbetrieb
Deutschland
Vorleistungen 593 1222 1003 1121
Equipment 450 500 430 430
Insgesamt 1043 1722 1433 1551
darunter: Region Dresden
Vorleistungen 441 913 784 886
Equipment 300 430 400 400
Insgesamt 741 1343 1184 1286

Quelle: Schitzungen des DIW.

Beschdftigungseffekte durch das Einkommen der zusdtzlich Beschdftigten

Die bisher dargestellten Analysen haben zu einer Schitzung derjenigen Beschiftigungs-
effekte gefiihrt, die durch den Bau und in der Betriebsphase durch die direkte Beschifti-
gung und den Bezug von Vorleistungen ausgelost wurden. Auf volkswirtschaftlicher Ebe-
ne entstehen unter Beriicksichtigung von Kreislaufzusammenhingen zusitzliche Beschifti-
gungseffekte der Ansiedlung des Halbleiterwerks dadurch, da mit der zusitzlichen Be-
schiftigung ein zusitzliches Einkommen in der Volkswirtschaft verbunden ist. Durch die
Verausgabung dieses Einkommens - im wesentlichen als privater Verbrauch der zusitzlich
Beschiftigten - entsteht ein zusitzlicher Nachfrageimpuls in der Volkswirtschaft, der wie-
derum zu weiteren Beschiftigungseffekten fiihrt.

In Abschnitt 4.1 wurde geschitzt, daB in der Phase des Normalbetriebs durch die direk-
te Beschiftigung von 1 850 Personen im Werk ein Nachfrageimpuls von 71.2 Mill. DM
entsteht. In methodisch vergleichbarer Weise ergibt sich durch die Beschiftigung
1 433 Personen, die durch die Nachfrage nach Vorleistungen und im Equipmentbereich
induziert wird, ein Nachfrageimpuls von 52 Mill. DM*, so daB sich in der Phase des
Normalbetriebs durch den induzierten Beschiftigungseffekt insgesamt ein Nachfrageim-
puls von 123 Mill. DM ergibt*.

Die volkswirtschaftliche Analyse der aus diesem einkommenbedingten Nachfrageeffekt
resultierenden Beschiftigung mufl beriicksichtigen, daf die tatsichlich wirksame zuscitzli-
che Nachfrage davon abhingig ist, welches Einkommen die Beschiftigten hatten, bevor

“! Der Nachfrageimpuls pro Beschiftigten ist mit 36 TDM bei den Beschiftigten im Vorleistungsbe-
reich geringer als bei den Beschiftigten im Halbleiterwerk (42 TDM), weil die Durchschnittseinkommen
der Beschiftigten im Vorleistungsbereich niedriger sind.

“2 Aus dem Einkommenseffekt, der aus dem Beschiftigungseffekt in der Bauphase des Halbleiterwerks
resultiert, entsteht dariiber hinaus tiber drei Jahre verteilt ein einmaliger Nachfrageeffekt von insgesamt
392 Mill. DM.
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sie direkt oder indirekt durch das Halbleiterwerk eine Beschiftigungsmoglichkeit gefun-
den haben. Es wird geschitzt, dal 75 % der Personen, die durch das Halbleiterwerk eine
Beschiftigung haben, aus der registrierten Arbeitslosigkeit oder aus einem anderen Be-
schiftigungsverhiltnis kommen, wo sie ceteris paribus wieder Platz fiir einen anderen Be-
schiftigten machen. Diese Gruppe hatte also vor ihrer Beschiftigung ein Transferein-
kommen aus der Arbeitslosenversicherung, so daf der ermittelte Nachfrageeffekt um die
Hohe ihrer bisherigen Einkommen gemindert werden muB. Von den registrierten Arbeits-
losen in den neuen Bundeslindern, wo ein iiberwiegender Teil der Beschiftigungseffekte
wirksam wird, haben 58 % Anspruch auf Arbeitslosengeld mit einem Durchschnittssatz
von 1 175 DM monatlich, 32 % haben Anspruch auf Arbeitslosenhilfe mit einem Durch-
schnittssatz von 827 DM monatlich, 10 % der registrierten Arbeitslosen haben keinen
Anspruch auf Leistungen®. Die durchschnittliche Transferzahlung pro Kopf der regi-
strierten Arbeitslosen betrug damit im Jahr 1996 also 950 DM im Monat.

25 % der induzierten Beschiftigung kommt aus der Stillen Reserve des Arbeitsmarktes,
war also vorher nicht arbeitslos gemeldet und nicht in einem anderen Arbeitsverhiltnis.
Fiir diese Gruppe mufl der ermittelte Nachfrageeffekt nicht um den Betrag vorheriger
Einkommen gemindert werden.

Unter Beriicksichtigung der den Beschiiftigten zuvor zugeflossenen Transfereinkommen
verringert sich der einkommensbedingte Nachfrageeffekt aus zusitzlicher Beschiftigung
von 123 Mill. DM auf 95 Mill. DM.

Der von einem aus volkswirtschaftlicher Sicht exogenen Nachfrageimpuls ausgehende
gesamtwirtschaftliche Nachfrageeffekt wird durch kreislaufbedingte Multiplikatoreftekte
verstirkt. Nach Simulationsrechnungen mit einem gesamtwirtschaftlichen okonometri-
schen Modell ergibt sich aus einem exogenen Impuls von 1 Mill. DM auf den privaten
Verbrauch ein mittelfristiger Effekt von 1,6 Mill. DM. Unter Beriicksichtigung dieses
Multiplikatoreffektes resultiert letztlich aus dem zusitzlichen Einkommen der direkt und
indirekt durch das Halbleiterwerk beschiftigten Personen ein Nachfrageimpuls von
156 Mill. DM. Hiervon werden 87 Mill. DM in der Region Dresden und 49 Mill. DM
im tibrigen Bundesgebiet und 20 Mill. DM im Ausland nachfragewirksam.

In Deutschland entsteht in der Phase des Normalbetriebs durch diesen einkommensbe-
dingten Nachfrageeffekt ein Beschiftigungseffekt von 1712 Personen®. 69 % dieses Be-
schiftigungseffektes fallen in der Region Dresden an, 31 % im iibrigen Bundesgebiet. Da
die Effekte iiber die Ausgaben fiir den privaten Verbrauch angestofien werden, sind die so
induzierten Beschiftigungseffekte iiber die Mehrzahl der Branchen der Volkswirtschaft
gestreut.

* Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die aktuellsten derzeit verfiigbaren Angaben. Vgl.
Bach, Jung-Hammon, Otto (1996) und Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt fiir Arbeit (1996).

“ Die entsprechenden Beschiftigungseffekte betragen im Jahr 1994 527 Personen, im Jahr 1995 1 469
Personen und im Jahr 1996 1 653 Personen. Hierin sind jeweils die entsprechenden einkommensbeding-
ten Nachfrageeffekte aus der Bauphase mitenthalten.
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Die grofiten Beschiftigungswirkungen entstehen in den konsumnahen Bereichen, insbe-
sondere im Einzelhandel, im Hotel- und Gastgewerbe, bei den sonstigen marktbestimmten
Dienstleistungen sowie in der Nahrungsmittelindustrie.

Zusammenfassende Darstellung der Beschdftigungseffekte des Halbleiterwerks Dresden

Fafit man die in den vorigen Abschnitten detailliert fiir die einzelnen Komponenten
nachgewiesenen Beschiftigungseffekte zusammen, 148t sich fiir die Jahre 1994 bis 2000
ein Gesamtbild der Beschiftigungswirkungen zeichnen, die vom Bau und Betrieb des
Halbleiterwerks Dresden ausgehen.

In den Jahren 1994 und 1995, die noch stark von den Effekten der Bauphase geprigt
werden, ergeben sich fiir die deutsche Volkswirtschaft insgesamt Beschiftigungswirkun-
gen von 2 700 Personen (1994) bzw. von 8 900 Personen (1995). Im Jahr 1996, in dem
noch im Umfang von 500 Personen baubedingte Effekte auftreten, betrigt der Beschifti-
gungseffekt S 300 Personen. Fiir das Jahr 1997, in dem keine Baueffekte mehr auftreten
und iiber das gesamte Jahr gesehen noch nicht die Phase des Normalbetriebs erreicht ist,
wird der Beschiftigungseffekt auf 5 000 Personen geschitzt. Ab dem Jahr 1998 wird der
Normalbetrieb des Halbleiterwerks unterstellt, ab dieser Zeit ergibt sich fiir Deutschland
insgesamt ein Beschiftigungseffekt von 5 100 Personen. In Phase des Normalbetriebs ste-
hen 1 850 Personen, die direkt im Halbleiterwerk Beschiftigung finden, noch einmal
3 260 Personen gegeniiber, die in anderen Bereichen der Volkswirtschaft beschiftigt sind,
weil die Standortentscheidung in Bezug auf das Halbleiterwerk SIMEC fiir Deutschland
gefallen ist. Pro geschaffenem Arbeitsplatz im Halbleiterwerk selbst werden also noch
einmal 1,8 zusitzliche Arbeitsplitze in anderen Bereichen der Wirtschaft ausgelastet.

Der iiberwiegende Teil der Beschiftigungseffekte des Halbleiterwerks entfillt auf die
Region Dresden. Der quantitativ groBte Effekt tritt - bedingt durch die Bauphase- mit
5 700 Personen voriibergehend im Jahr 1995 ein. In der Phase des Normalbetriebs ergibt
sich ab dem Jahr 1998 ein dauerhafter Beschiftigungsimpuls fiir die Region in Hohe von
4 300 Personen. Damit entfallen 84 % der Beschiftigungswirkungen, die sich fiir
Deutschland insgesamt ermitteln lassen, auf diese Region. Zusitzlich zu den 1 850 Mit-
arbeitern im Halbleiterwerk werden also 2 460 Arbeitspldtze in anderen Bereichen der
regionalen Wirtschaft ausgelastet. Pro 100 direkt im Halbleiterwerk geschaffenen Ar-
beitsplitzen entstehen damit in der Region noch einmal zusitzlich 133 Arbeitsplitze.

Fiir den regionalen Arbeitsmarkt haben die mit der Ansiedlung des Halbleiterwerks
verbundenen Beschiftigungswirkungen ein erhebliches Gewicht. In Relation zur Indu-
striebeschiftigung in der Stadt Dresden von 32 243 Personen per Stichtag 30.9.1995*
macht allein die direkte Beschiftigung im Werk von 1 850 Personen 5,7 % aus. Der ge-
samte Beschiftigungseffekt von 4 300 Personen bedeutet im Vergleich zur gesamten Be-

“ Dies sind die aktuell verfiigbaren Angaben fiir die Stadt Dresden. Es handelt sich um sozialversiche-
rungspflichtige Beschiftigte.
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schiftigung im Arbeitsamtsbezirk Dresden per Stichtag 31.12.1995 von 273 769 Per-
sonen*® einen Anteil von 1,6 %.

Tabelle 4.2-6

Beschiiftigungseffekte des Halbleiterwerks Dresden in den Jahren 1994 bis 2000
fiir Deutschland insgesamt und fiir die Region Dresden

Beschiftigung in Personen
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000

Deutschland
Direkte Beschéftigung 100 600 | 1400 [ 1850 | 1850 | 1850 | 1850
Vorleistungen und Equipment 0] 1043 | 1722 | 1433 | 1551 | 1551 | 1551

Einkommensbedingter

Nach-frageeffekt 5271 1469 ) 1656 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712

Bauphase 2072 | 5787 530 0 0 0 0

Insgesamt 2699 | 8899 | 5308 | 4995 | 5113 | 5113 | 5113
darunter : Region Dresden

Direkte Beschiftigung 100 600 | 1400 | 1850 | 1850 ) 1850 | 1850

Vorleistungen und Equipment 0 741 | 1343 ] 1184 | 1286 | 1286 | 1286

Einkommensbedingter

Nach-frageeffekt 3621 1010 | 1139 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177

Bauphase 1680 | 3344 194 0 0 0 0
Insgesamt 21421 5695 | 4076 | 4211 | 4313 | 4313 | 4313
Quelle: Schitzungen und Berechnungen des DIW.

4.2.1.3. Beschiftigungsentwicklung unter Beriicksichtigung der Standort-
entscheidung von AMD zum Bau eines Halbleiterwerks in Dresden

Im Gefolge der Ansiedlungsentscheidung fiir das Halbleiterwerk SIMEC hat das ameri-
kanische Halbleiterunternehmen Advanced Micro Devices (AMD) im Jahr 1996 bekannt-
gegeben, seine nichste Waferfab (FAB30) in Dresden zu errichten. Dieses Halbleiterwerk
wird der erste eigenstindige Produktions- und Forschungsstandort dieses Unternehmens
auBerhalb der USA sein’’. Neben einer Halbleiterfertigung modernster Technologie zur
Produktion kiinftiger Generationen von Mikroprozessoren (K6 und K7 in der Terminolo-
gie von AMD) wird in Dresden auch ein Designzentrum zum Entwurf von integrierten
Schaltkreisen entstehen.

Das Investitionsvolumen dieses Projekts betragt bis zum Jahr 2004 rund 2,9 Mrd. DM.
Das Werk wird iiber eine Reinraumfliche von 8 000 m” verfiigen. Es wird im Vollausbau
von einer direkten Beschiftigung im Werk von 1 400 Mitarbeitern ausgegangen.

“S ErfaBt werden nur sozialversicherungspflichtige Personen.

“7 AMD betreibt in einem Kooperationsprojekt mit dem japanischen Unternehemen Fujitsu eine Halb-
leiterfertigung in Japan (FASL). Dort werden Flash-Speicherprodukte hergestellt.
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Der erste Spatenstich des Projektes ist im Oktober 1996 erfolgt, die eigentliche Baupha-
se beginnt im Friihjahr 1997 bzw. fiir das Designzentrum Mitte 1998. Mit dem Produkti-
onsbeginn wird im Jahr 1999 gerechnet, als Startprodukt ist der Mikroprozessor K6 vor-
gesehen,

Tabelle 4.2-7

Beschiftigungseffekte unter Beriicksichtigung der Standortentscheidung
von AMD zum Bau eines Halbleiterwerks Dresden

Beschiftigung in Personen
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000
Deutschland
Direkte Beschiftigung 100 600 | 1400 1 950 2450 3250 3250
Vorleistungen und 0 1043 | 1722 1433 2 394 3023 2 804
Equipment
Einkommensbedingter 527 1469 | 1656 2239 3181 | 3365]| 3365
Nachfrageeffekt
Bauphase 2072 5787 530 2072 5787 530 0
| Insgesamt 2 699 8899 | 5308 7694 | 13812 | 10168 | 9 419
darunter : Region Dresden
Direkte Beschiftigung 100 600 | 1400 1 950 2450 3250 3250
Vorleistungen und 0 741 1343 1184 1927 | 2399 2270
Equipment
Einkommensbedingter 362 1010 | 1139 1539 2187 | 2316 2 316
Nachfrageeffekt
Bauphase 1 680 3344 194 1 680 3344 194 0
Insgesamt 2142 5695 | 4076 6 353 9908 | 8159 | 7836
—QTelle: Schitzungen und Berechnungen des DIW.

Unterstellt man fiir die FAB30 in der Bau- und Betriebsphase dhnliche, aber auf die et-
was andere Dimension des Vorhabens abgestimmte Impulse fiir die Volkswirtschaft und
die Region Dresden, 148t sich ein Bild der Beschiftigungswirkungen unter EinschluB der
Standortentscheidung von AMD zeichnen. Insgesamt ergibt sich dann nach AbschluB der
Bauphase von FAB30 ein dauerhafter Beschiftigungsimpuls dieser beiden Halbleiterwerke
in Hohe von knapp 10 000 Personen. Fiir die Region Dresden ist mit einem dauerhaften
Beschiftigungseffekt von knapp 8 000 Personen zu rechnen.

4.2.2. Fiskalische Wirkungen der Standortentscheidung

Die Abschitzung der finanziellen Auswirkungen der Ansiedlung des Halbleiterwerks ist
ein Bestandteil der Wirkungsanalyse zu den quantifizierbaren volkswirtschaftlichen Effek-
ten dieser Standortentscheidung. Die Vorgehensweise ist methodisch eng mit der Analyse
der Produktions- und Beschaftigungswirkungen im vorigen Abschnitt verkniipft. Dies gilt
insbesondere im Hinblick auf die identische Definition des Wirkungsfalls (Bau und Be-
trieb des Halbleiterwerks) und des Referenzfalls (Status-quo). Inhaltlich baut die Untersu-
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chung der fiskalischen Wirkungen auf den Ergebnissen der Analysen zu den Beschifti-
gungswirkungen auf, da die ermittelten Beschiftigungseffekte eine wesentliche Grundlage
fiir die Berechnung eines Teils der abzuschitzenden fiskalischen Wirkungen des Baus und
des Betriebs des Halbleiterwerks darstellen.

Wesentlicher Gegenstand der hier angestellten Uberlegungen ist ein Gegeniiberstellung
der Ausgaben und Einnahmen, die aus Sicht des Staates im Zusammenhang mit der
Standortentscheidung fiir das Halbleiterwerk SIMEC zu erwarten sind. Auf der Ausga-
benseite des Staates sind die verausgabten Fordermittel zu verbuchen, auf der Einnahmen-
seite sind alle jene finanziellen Strome zu erfassen, die dem Staat im Gefolge der Stand-
ortentscheidung fiir das Halbleiterwerk zufliefien. Die finanziellen Strome auf der Einnah-
men- und Ausgabenseite werden in einer fiskalischen Modellrechnung gegeniibergestellt.

Ein erster Schritt zur Konkretisierung dieses Analyseziels ist eine Definition, die den
Begriff Staat operational abgrenzt. Im Definitionsrahmen der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung wird der Staat hier mit den Gebietskorperschaften und der Sozialversiche-
rung gleichgesetzt, d.h. in der Gegeniiberstellung der staatlichen Ausgaben und Einnah-
men werden die Finanzierungsstrome der Gebietskorperschaften und der Sozialversiche-
rungs-systeme beriicksichtigt. Auf der Einnahmenseite werden also nicht nur Steuern und
Abgaben, sondern auch Beitrige zu den Sozialversicherungssystemen (Arbeitslosen-,
Kranken- und Rentenversicherung) beriicksichtigt.

Die Analyse der fiskalischen Wirkungen erstreckt sich iiber einen Zeitraum von zehn
Jahren, also iiber die Periode 1994 bis 2003. Dies ist auch der Planungszeitraum, iiber
den der Investor finanzielle Angaben iiber die Entwicklung des gesamten Investitionsvor-
habens gemacht hat**,

Die Zahlungsstrome der staatlichen Ausgaben und Einnahmen flielen zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten, wobei die Fordermittel als staatliche Ausgaben tendenziell zu einem
fritheren Zeitpunkt flieBen als die aus dem Betrieb des Halbleiterwerks resultierenden
staatlichen Einnahmen. Um die unterschiedliche Zeitstruktur von staatlichen Einnahmen
und Ausgaben zu beriicksichtigen, erfolgt der Vergleich nach der Barwertmethode, d.h.
die Zahlungsstrome werden mit einem festzusetzenden internen Zinsfufl auf die Anfangs-
periode abgezinst. Dies schafft eine Analogie zu der Entscheidungssituation iiber ein pri-
vates Investitionsvorhaben, bei dem eine Beurteilung iiber die Rentabilitit oder
» Vorteilhaftigkeit* eines Investitionsvorhabens in der Anfangsperiode zu erfolgen hat.

“® Die tatsichliche ,Lebensdauer” des Halbleiterwerks diirfte iiber diesen Zeitraurn deutlich hinausrei-
chen, ohne daB allerdings quantifizierbare Angaben vorliegen, die eine Abschitzung der fiskalischen
Wirkungen tiber den 10-Jahreszeitraum hinaus erméglichen. In der Tendenz wire bei einer Betrachtung
der fiskalischen Wirkungen iiber eine lingere Lebensdauer des Investitionsvorhabens vermutlich damit zu
rechnen, daf} in den Perioden nach dem hier betrachteten 10-Jahreszeitraum die staatlichen Einnahmen
hoher ausfallen als die staatlichen Ausgaben, da die Wirkungen der Anfangsforderung noch anhalten, so-
lange die errichteten Gebdude einschlieflich der technischen Infrastruktur noch nicht obsolet sind.
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Bei der Analyse der fiskalischen Wirkungen werden auf der Einnahmenseite des Staates
folgende Komponenten beriicksichtigt:

— Steuereinnahmen, die aus der durch das Halbleiterwerk induzierten Beschiftigung re-
sultieren

— Steuereinnahmen, die vom Investor gezahlt werden

— Einnahmen der Sozialversicherung, die aus der durch das Halbleiterwerk induzierten
Beschiftigung resultieren

— Minderausgaben der Sozialversicherung, die als Folge einer verringerten Arbeitslosig-
keit zu erwarten sind.

Die von den Kunden des Halbleiterwerks zu entrichtende Umsatzsteuer auf die Produk-
te des Halbleiterwerks ist in der Modellrechnung nicht zu beriicksichtigen. Umsatzsteuer
wird auf den letzten Verbrauch von Produkten im Inland entrichtet, unabhingig davon,
ob diese im Inland produziert werden oder aus dem Ausland importiert werden. Da nach
den Ergebnissen der Studie der umsatzsteuerrelevante Endverbrauch von DRAM und an-
deren standardisierten Halbleiterprodukten in Deutschland nicht in quantifizierbare Weise
durch die Hohe der inldndischen Produktion beeinfluit wird, ergibt sich im Wirkungsfall
(Ansiedlung des Halbleiterwerks Dresden) grundsitzlich keine hohere Mehrwertsteuer auf
die Halbleiterprodukte als im Referenzfall.

Auf der Ausgabenseite des Staates werden die bisher gezahlten und fiir die Zukunft zu-
gesagten Fordermittel beriicksichtigt, die gemaf der Darstellung in Abschnitt 2.3 folgen-
de Komponenten umfassen:

- Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur* (GA-Forde-
rung)

— Investitionszulage laut Investitionszulagengesetz

— ZinszuschuB} des Freistaats Sachsen

— Forderung aus dem Projekt ,,Zielorientierte Arbeitsforderungs-, Beschiftigungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft“ (Z-ABS).

Eine inhaltliche Beschreibung und die quantitative Schitzung der gezahlten Fordermittel
erfolgte in Abschnitt 2.3. Nach diesen Abschitzungen ergab sich iiber den Zeitraum 1994
bis 2003 insgesamt ein Fordervolumen von 937 Mill. DM fiir die Ansiedlung des Halblei-
terwerks SIMEC.

4.2.2.1. Komponenten der finanziellen Wirkungen
auf der Einnahmenseite des Staates

Im Folgenden wird eine kurze inhaltliche Beschreibung der finanziellen Wirkungen auf
der Einnahmenseite des Staates gegeben, die in der fiskalischen Modellrechnung beriick-
sichtigt werden.
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Steuereinnahmen, die aus der durch das Halbleiterwerk induzierten Beschdftigung resul-
tieren

Steuereinnahmen entstehen dadurch, daB durch die Ansiedlung des Halbleiterwerks in
Deutschland Beschiftigung entsteht, die im Referenzfall (status-quo) nicht entstehen wiir-
de. Zur induzierten Beschiftigung werden alle Komponenten gezihlt, die bei der Analyse
der Beschiftigungswirkungen beriicksichtigt werden (direkte Beschiftigung, Vorleistun-
gen und Equipment, Einkommensbedingter Nachfrageeffekt und die temporire Beschifti-
gung durch die Bauphase).

Die quantitativ wichtigste Steuereinnahme, die aus der Mehrbeschiftigung resultiert, ist
die Einkommensteuer, die von den Beschiftigten zu entrichten ist. Ein bestimmter Anteil
des verfiigbaren Einkommens* wird im Inland fir Konsumzwecke verausgabt (inlindi-
scher privater Verbrauch). Von den privaten Haushalten wird Mehrwertsteuer auf diesen
inldndischen privaten Verbrauch entrichtet. Auf den induzierten privaten Verbrauch sind
zusitzlich verschiedene Verbrauchsteuern™ zu entrichten.

Steuereinnahmen, die vom Investor gezahlt werden

Im Zusammenhang mit dem Betrieb des Halbleiterwerks werden Unternehmenssteuern
fillig". Als ertragsabhdiingige Steuer ist vom Unternehmen abhingig von der bilanziellen
Gewinnsituation Korperschaftsteuer zu entrichten. Als ertragsabhingige Steuer, die den
Kommunen zufliefit, ist dariiber hinaus die Gewerbeertragsteuer zu beriicksichtigen.

Als ertragsunabhdingige Steuern sind in den neuen Bundeslindern die Grundsteuer und
einmalig beim Kauf eines Grundstiicks Grunderwerbsteuer zu entrichten™.

Einnahmen der Sozialversicherung, die aus der durch das Halbleiterwerk induzierten Be-
schaftigung resultieren

Die induzierten Mehreinnahmen der Sozialversicherung umfassen die zusitzlichen Ein-
nahmen der Arbeitslosen-, der Renten- und der gesetzlichen Krankenversicherung, die als

“ Das verfiigbare Einkommen ergibt sich, in dem vom Bruttoeinkommen die Einkommensteuer und
die Sozialabgaben der Beschiftigten abgezogen werden.

% Zu den Verbrauchsteuern zihlen die Mineralolsteuer, die Tabaksteuer, die Branntweinsteuer, die
Kaffeesteuer, die Biersteuer und die Schaumweinsteuer.

5! Zusiitzliche Unternehmenssteuern werden auch bei den anderen Unternehmen fallig, dic aufgrund
der Ansiedlung des Halbleiterwerks im Vergleich zum Referenzfall ein zusitzliches Umsatzvolumen ab-
wickeln konnen. Wegen fehlender Informationen wird auf eine quantitative Schitzung dieser Steuereffek-
te verzichtet. Die Steuereffekte, die sich bei den zusétzlich Beschiftigten in diesen Unternehmen ergeben,
konnen dagegen, wie oben erldutert, quantitativ erfait werden.

%2 In den neuen Bundeslindern werden Gewerbekapitalsteuer und Vermdgensteuer bisher nicht erho-
ben. Es wird davon ausgegangen, dafl diese Steuerarten in den neuen Bundeslindern auch in Zukunft
nicht erhoben werden. Die Grundlage fiir diese Einschitzung liefert zum einen das einschligige Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zur Vermogensteuer wie auch politische Absichtserklirungen zur Abschaf-
fung der Gewerbekapitalsteuer im gesamten Bundesgebiet.

S Belitz u. a.
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Beitrige von den Beschiftigten als Arbeitnehmeranteile und vom jeweiligen Arbeitgeber
als Arbeitgeberanteile entrichtet werden.

Minderausgaben der Sozialversicherung, die als Folge einer verringerten Arbeitslosigkeit
zu erwarten sind

In dem Umfang, in dem sich durch die Mehrbeschiftigung fiir das Halbleiterwerk
Dresden eine Verringerung der registrierten Arbeitslosigkeit ergibt, kommt es zu einer
Verminderung der zu zahlenden Leistungen der Arbeitslosenversicherung.

4.2.2.2. Quantitative Abschitzung der fiskalischen Wirkungen

Fiir die einzelnen Komponenten der finanziellen Wirkungen auf der Einnahmenseite des
Staates wird im folgenden auf die Berechnungsgrundlagen und die sich ergebenden quan-
titativen Schitzungen eingegangen.

4.2.2.2.1. Steuereinnahmen, die aus der durch das Halbleiterwerk
induzierten Beschiiftigung resultieren

Fiir die einzelnen Komponenten der fiskalischen Wirkungen auf der Einnahmeseite wird
im Folgenden auf die Berechnungsgrundlagen und die sich ergebenden quantitativen Ab-
schitzungen eingegangen.

Einkommensteuer

Ausgangspunkt der Abschitzung der Einkommensteuer ist die Zahl der Beschiftigten,
die nach den Analysen im vorigen Abschnitt dem Halbleiterwerk zugerechnet werden
kann. Als Berechnungsgrundlage der Einkommensteuer dient das Bruttojahreseinkommen
dieser Beschiftigten, so daB Schitzungen iiber die Hohe der jeweiligen jihrlichen Brutto-
einkommen notwendig sind. Die jihrlichen Einkommen der direkten Beschiftigten sind
auf der Basis von Angaben des Investors in Kapitel 4.1 geschitzt worden. Zur Abschiit-
zung der Bruttojahreseinkommen der Beschiftigten im Vorleistungs- und Equipmentbe-
reich wurden Ergebnisse aus den miindlichen Interviews und Fallstudien bei dieser Unter-
nehmensgruppe ausgewertet. Das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen eines Be-
schiftigten in diesem Bereich wurde auf 53 T DM geschitzt. Fiir die Beschiftigten, die in
Folge des einkommensbedingten Nachfrageeffektes eine Beschiftigung gefunden haben,
wird wegen der breiten Streuung dieses Effekts iiber die Branchen ein Bruttojahresein-
kommen pro Beschiftigten von 45 T DM geschitzt, das in etwa dem Durchschnittsein-
kommen in den neuen Bundeslindern entspricht53. In der Phase des Normalbetriebs ergibt

% Diese Einkommenshéhe wurde auch fiir die Beschiftigten unterstellt, die in der Bauphase des Halb-
leiterwerks direkt und indirekt eine Beschiftigung gefunden haben.
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sich damit ein Bruttojahreseinkommen der zusitzlich 5 100 Personen in Hohe von
270 Mill. DM.

Tabelle 4.2-8

Jihrliche Bruttojahreseinkommen der durch das Halbleiterwerk
induzierten Beschiftigten in der Phase des Normalbetriebs

Bruttojahres-
Komponente des Beschiftigungseffekts Beschiftigte einkommen

in Mill. DM
Direkte Beschéftigung 1850 109,5
Vorleistungen und Equipment 1551 83,2
Einkommensbedingter Nachfrageeffekt 1712 77,0
Insgesamt 5113 269,7
Quelle: Schitzungen und Berechnungen des DIW.

Wegen der deutlichen Progressionseffekte im Einkommensteuertarif erfolgt die Berech-
nung der aus diesem jeweiligen Bruttojahreseinkommen zu zahlenden Einkommensteuer
mit Hilfe eines Einkommensteuermodells, das die Steuerbelastung fiir Einkommensklas-
sen abbildet™. Bei der Ermittlung der Einkommenssteuer wird modellhaft davon ausge-
gangen, daB der jeweilige Beschiiftigte verheiratet ist, sein Ehepartner iiber kein eigenes
Einkommen verfiigt und die Familie 1 Kind hat. Fiir den ges<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>